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Relatério Descritivo da Patente de Invengéo para "MISTURA DE
COMPOSTOS ESTABILIZADORA, SUA COMPOSIGAO E SEU USO, E
METODOS DE ESTABILIZAGAO DE MATERIAL ORGANICO COM RE-
LAGAO AO DANO DE EXPOSIGAO A LUZ, OXIGENIO E/OU CALOR".

A presente invencao se refere a um estabilizador compreenden-
do uma mistura de 2,4,6-tris(2,4-diidroxifenil)-1,3,5-triazinas com pelo menos
2 tipos de compostos individuais, a saber aqueles em que 2 dos 6 grupos
hidroxila foram substituidos por uma radicagao de hidrocarbiléxi, e pelo me-
nos um outro tipo em que menos e/ou mais do que 2 dos 6 grupos hidroxila
foram substituidos por um radical de hidrocarbiléxi. A invencdo do mesmo
modo refere-se a seu uso para estabilizacdo de material organico, a uma
composicao correspondente e o método para estabilizagdo de material orga-
nico, e os novos compostos individuais.

Os compostos individuais do tipo hidroxifeniltriazina que séao de-
rivados de 2,4,6-tris(2,4-difenil)-1,3,5-triazina e seu uso como estabilizadores
sao descritos, inter alia, nas GB-A-975966, US-3113940, US-3113941, US-
3113942, CH-A-467833, US-3244708, US-3249608, EP-A-434608, US-
5300414, US-5489503, GB-A-2319523, GB-A-2337049, CH-A-484695.

Certas misturas de hidroxifeniltriazinas ja foram propostas como
estabilizadores, por exemplo, nas EP-A-444323, GB-A-2317893, US-5668200.

Misturas de compostos agora encontradas que possuem propri-
edades surpreendentemente vantajosas. A invengao, portanto, primeiramen-
te prové uma mistura compreendendo um composto G, e pelo menos um
outro composto do grupo Go, G1, Gs, Ga, Gs, Gs, 0s compostos G.-Gs, cada

um correspondendo a férmula |
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N
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em que

X, Y e Z independentemente uns dos outros sdo H, Ty OTy,
NT4Tz, 8T1, SOT4, SO2T, SONT T, SO3H, SOsT¢, SOsM ou -D; em que

T1 e T2 sdo Cr-Csg alquila, Cs-C12 cicloalquila, C--Cqg arilaiquila,
C7-Cyg alquilarila, Ce-C1g arila, Co-Csp alquenila, Cs-Cy; cicloalquenila, C2-Cso
alquinila, Cs-Cy; cicloalquinila, Cs-Cs bicicloalquila, Cs-C1g bicicloalquenila; ou
um destes radicais substituidos por um ou mais D e/ou, se desejado, inter-
rompidos por uma ou mais unidades E;

D é selecionado de -R, -OH, -OR, -SR, -NRR', -NRSO:R', -SOR,
-S0O:R, -SOzNRR', -SO3zH, -SOzM, -SO3R, oxiranila, -Hal, -CN, -COR, -COOR,
-COOM, -CONRR', -OCOR, -OCOOR, -OCONRR', -NRCOR', -NRCOOR,
-NRCONR'R’;

E é selecionado de -O-, -8-, -NR-, -SO-, -S0;-, -SO:NR-, -CO-,
-COO-, -CONR-, -OCO-, -O-CO-0O-, OCONR-, -NRCO-, -NR-CO-O- e
-NRCONR'-;

R, R', R", R* independentemente uns dos outros sao H, C-Cso
alquila, Cs-Ciz cicloalquila,

C,-Cis arilalquila, C;-Cqs alquilarila, Cs-Cqg arila, C2-Csp alquenila,
Cs-Ci2 cicloalquenila, C2-Csp alquinila, Cs-Ci2 cicloalquinila, Cs-Cqg bicicloal-
quila, Ce-Cqs bicicloalquenila; ou sao um destes radicais de hidrocarboneto
mencionados acima substituidos por OH e/ou interrompidos por O; Hal é -F,
-Cl, -Br ou -I;

M é um cation de metal monovalente, de preferéncia um cation
de metal alcalino, ou é N(RR'R'R*)" especialmente ambnio, ou &
P(RR'R"R*)+;

e em que, no composto

Gy, os radicais R+, Rz, Rs, R4, Rs € R sao cada um hidrogénio;

G+, um radical do grupo Ri, Rz, Rs, R4, Rs e Rs € Q e os outros
sao cada um hidrogénio;

Gy, dois radicais do grupo Rq, Rz, Rs, R4, Rs @ Rs s&o cada um Q
€ 0s outros sdo cada um hidrogénio;

G3, trés radicais do grupo R4, Rz, Rs, R4, Rs € Rg sd0 cada um Q
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€ 0s outros sado cada um hidrogénio;

G4, quatro radicais do grupo R4, Rz, R3, R4, Rs e Rs sd0o cada um
Q e os outros sdo cada um hidrogénio;

G, cinco radicais do grupo Ry, Rz, Rs, Rs, Rs € Rs sd0 cada um
Q e 1 radical é hidrogénio;

Gs, os radicais R4, Rz, R3, R4, BRs € R sdo cadaum Q; e

Q ¢ -Ty, -COT4, -COH, -COQOT;, -CONHT4, -CONHz ou -CONTT>.

Misturas preferidas sdo aquelas em gque, no composto

Gy, 0s radicais R4, Rz, Ra, R4, Rs € Rg sdo cada um hidrogénio;

G, o radical R, € Q e Rz, Rs, R4, Rs € Rg sao cada um hidrogé-
nio;

Gy, os radicais Ry @ Rz independentemente uns dos outros séo
cada um Q e Rj, R4, Rs € Rs 880 cada um hidrogénio;

Ggs, os radicais R4, Rz e Rs independentemente uns dos outros
séo cada um Q e R4, Rs e R, sd30 cada um hidrogénio;

G4, os radicais R4, Rz, Rz e R4 independentemente uns dos ou-
tros sdo cada um Q e Rs e Rg sdo cada um hidrogénio;

Gs os radicais R4, Rz, Rs, R4 € Rs independentemente uns dos
outros sdo cada um Q e Rs é hidrogénio; e

G, 0s radicais R4, Rs, Rs, R4, Rs e Rs independentemente uns
dos outros sao cada um Q.

C+-Cso alquiila, por exemplo, T4, T2, R, R, R* ou R", € um radical
ramificado ou ndo-ramificado tais como por exemplo, metila, etila, propila,
isopropila, n-butila, sec-butila, isobutila, terc-butila, 2-etilbutila, n-pentila, iso-
pentila, 1 -metilpentila, 1,3-dimetilbutila, n-hexila, 1 -metilexila, n-heptila, iso-
eptila, 1,1,3,3-tetrametilbutila, 1-metileptila, 3-metileptila, n-octila, 2-etilexila,
1,1,3-trimetilexila, 1,1,3,3-tetrametilpentila, nonila, decila, undecila, 1-metilun-
decila, dodecila, 1,1,3,3,5,5-hexametilexila, tridecila, tetradecila, pentadecila,
hexadecila, heptadecila, octadecila, eicosila, docosila. Uma das definicbes
preferidas &, por exemplo, C+-Cis alquila. Uma definicdo particularmente
preferida de R, R' e R" é C-C, alquila.

T4, T2, R, R, R* e R" como Cs-Cy; cicloalquila sdo por exemplo,
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ciclopentila, cicloexila, cicloeptila, ciclooctila, ciclonon%la, ciclodecila, ciclodo-
decila. Cicloexila e ciclododecila sao preferidas.

T4, T2, R, R, R* e R" como C7-Cyg arilalquila sdo por exemplo,
benzila, metilbenzila, cumila.

T, T2, R, R, R* e R" como C7-C+s alquila sdo por exemplo, me-
tilfenila, dimetilfenila, mesitila, etilfenila, propilfenila, butilfenila, dibutilfenila,
pentilfenila, hexilfenila, heptilfenila, octilfenila.

T4, T2, R, R' e R" como Cs-Cg arila sao, por exemplo, fenila, naf-
tila, bifenilila. Fenila é preferida.

T4, T2, R, R, R* e R" como C,-Csp alquenila sdo, por exemplo,
vinila, alila, butenila, pentenila, hexenila, heptenila, octenila; preferéncia é
dada a alila se o radical se liga a um heteroatomo (um atomo outro que nao
carbono, por exemplo, O), e vinila onde o radical se liga a carbono.

Uma definicdo preferida de D como OCOR ¢é acriloiléxi ou meta-

criloiloxi.

T+, T2, R, R, R* e R" como Cs-Cy; cicloalquenila é de preferéncia
cicloexenila.

T4, T2, R, R, R* e R" como C,-Csg alquinila é de preferéncia pro-
pargila.

T4, T2, R, R' e R" como Cs-Cj; cicloalquinila & por exemplo, ciclo-
exynila.

T+, T2, R, R e R" como Cs-Cjs bicicloalquila € por exemplo, bici-
clo[2.2.1]heptila, biciclo[2.2.2]octila (norbornila).
T4, T2, R, R, R* e R" como Cs-C1s bicicloalquenila € por exem-

plo, biciclo[2.2.1]hept-2-enila, biciclo[2.2.2]octenila (norbornenila).
O

Oxiranila € um radical de epéxi da férmula VAL esta de prefe-
réncia ligada a CH; e assim forma um radical de glicidila.

Como descrito acima, os radicais acima mencionados podem
estar substituidos por D e/ou, se desejado, interrompidos por E. Interrupgdes
sao naturalmente possiveis apenas no caso de radicais contendo pelo me-
nos 2 atomos de carbono ligados entre si por ligagdes simples; Cs-Cig arila

ndo estd interrompida; arilalquila ou alquilarila interrompida contém a unida-
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de E na porcéo de alquila.

D: e substituintes de ligacdo de carbono D: -R, -CN, -COR,
-COOR, -COOM, -CONRR;

D é substituintes de ligacdo de heterodatomo D: -OH, -OR, -SR,
-NRR', -NRSQO;R', -SOR, -SO:R, -SO:NRR', -SO3H, -SOsM, -Hal, -OCOR,
-OCOOR, -OCONRR', -NRCOR!', -NRCOOR', -NRCONR'R".

Radicais aciclicos D»-substituidos contém de preferéncia 2 ou
mais, especiaimente 2-18 atomos de carbono.

D2 ndo esta em geral ligado na posigao alfa.

Radicais aciclicos, onde interrompidos, contém de preferéncia 3
ou mais, especialmente 3-18 atomos de carbono. Em geral, T1 ou T> como
radicais interrompidos contém 2 ou mais atomos de carbono para cada uni-
dade de interrupgao E. Em general, nao mais do que 1 unidade de interrup-
¢ao E ¢é inserida em uma ligagéo simples C-C, evitando acumulagdes do tipo
E-E. E assimétrico pode estar presente em qualquer posicao; por exemplo, E
como -CO-0O- inclui ambos os ésteres (em que -CO- & alinhado voltado para
© nulcleo da molécula) e retroésteres (em que -O- & alinhado voltado para o
nucleo da molécula).

Hal & por exemplo, fldor, cloro ou bromo ou iodo. Cloro é preferi-
do.

Alquila é por exemplo, C4-Cg alquila de tipo metila, etila, propila,
isopropila, butila, '

isobutila, terc-butila, pentila, hexila, heptila, octila, nonila, decila,
undecila, dodeciia,

\ tridecila, tetradecila, pentadecila, hexadecila, heptadecila ou oc-
tadecila. Cicloalquila é principalmente Cs-C12 cicloalquila de tipo ciclopentila,
cicloexila, cicloeptila, ciclooctila ou ciclododecila. Alguenila significa dentro
das definicbes dadas infer alia para vinila, alila, 1- ou 2-butenila etc. Os resi-
duos definidos, onde apropriados, podem ser de cadeia reta ou ramificada.
Residuos polivalentes séo derivados dos residuos monovalentes correspon-
dentes por abstracdo de um atomo de H; assim, C;-C1z alquenilen significa,

por exemplo, para metileno, etileno, etilideno, 1,1 -, 1,2- ou o,®-propileno, ou
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o butileno, pentileno, hexileno, heptileno, octileno correspondentes etc. isé-
Meros.

T4 ou T2 como C4-Csp alquila substituida por um ou mais D e/ou
interrompidos por uma ou mais unidades

E &, por exemplo, (CH2CH20)s-Rx, onde n é um ndmero da faixa
de 1-20 e Rx € H ou C4-Cyp alquila ou C»-Cyg alcanoila (por exemplo, CO-
CH(CzHs)CaHg),

CH»-CH(OR,')-CH2-O-Ry, onde Ry é C4-C1g alquila, Cs-Cz cicloal-
quila, fenila, C;-C+s fenilalquila, e Ry' inclui as mesmas definigdes como Ry
ou é H;

C1-Cs alquileno-COO-R,, por exemplo, CH.COOR;, CH(CHa)-
COOR;, C(CH3).COOR;, onde R; é H, C;-Cyg alquila, (CH2CH20)1.15-Rx, € R«
inclui as definigcdes indicadas acima; C+-Ciz alquileno-SOzH; CHCH>-O-CO-
CH=CH,; CH,CH(OH)CH;-O-CO-C(CHj3)=CHo>.

T e T2 sdo de preferéncia, independentemente entre si, C1-C1s
alquila, Cs-Cj, cicloalquila, C7-C+s fenilalquita, C;-Cys alquilfenila, fenila, naf-
tila, bifenilila, C,-C1g alquenila, Cs-Cy; cicloalquenila, Co-Cypz alquinila; ou séo
C+-Cis alquila, Cs-Ci2 cicloalquila, C;-C+g fenilalquila, C7-C1s alquilfenila, fe-
nila, naftila, bifenilila, C>-C4s alquenila, Cs-Cp cicloalquenila, Cs-C+z alquinila
em cada caso substituida por um ou mais D; ou sdo Cy-Csp alquila, C7-Crs
fenilalquila, C--C+s alquilfenila ou C4-Cqs alquenila interrompida por um ou
mais E; ou sao Cs-Csp alquila ou C4-Cqa alquenila ou C7-Cqg fenilalquila que
esta substituida por D e interrompida por E; especialmente C,-Cqg alquila,
Cs-Cyz cicloalquila, C-Cqs fenilalquila, C7-Cqs alquilfenila, fenila, naftila, bifeni-
lila, C»-C1s alquenila, cicloexenila; ou C4-C1s alquila, cicloexila, ciclododecila,
C;-C1g fenilalquila, G7-C+g alquilfenila, fenila, naftila, bifenilila, C2-C1g alque-
nila ou cicloexenila em cada caso substituida por um ou mais D; ou Cz-Csg
alquila, C7-Cqg fenilalquila, C+~-C1g alquilfenila ou C4-Cig alquenila interrompida
por um ou mais E; ou é C3-C5¢ alquila ou C4-Cqg alquenila ou C,-Cig fenilal-
quila que esta substituida por D e interrompida por E.

Cicloalquila substituida &, por exemplo, metilciclopentila, dime-

tilciclopentila, metilcicloexila, hidroxicicloexila, carboxicicloexila, alcoxicarbo-
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nilcicloexila, dimetilcicloexila, trimetilcicloexila, terc-butilcicloexila.

M como cation de metal monovalente pode também ser um
complexo de metal positivamente carregado; ele é de preferéncia um cétion
de metal alcalino, por exemplo, dos metais Li, Na, K, Cs; em particular Na. M
como N(R)4+ é de preferéncia aménio (NH4)+.

X, Y e Z em misturas preferidas sdo cada um hidrogénio, -Ty ou
D, especialmente H.

Um grupo dos compostos da férmula | de particular interesse
técnico € aquele em que X, Y e Z sdo cada um hidrogénio e Q tem a defini-
cdo Ti.

De significancia particular € uma mistura de compostos em que
G2 e um outro composto do grupo Gg, G1, Gz, Gs, Gs, Gs estdo cada um pre-
sente em uma quantidade de desde 1 a 99 partes em peso, com base em
cada caso em 100 partes em peso dos compostos totais Go-Gs presentes na
mistura.

Misturas preferidas dos compostos compreendem, além de Gz, 2
outros compostos do grupo Gg-Gs, especialmente G, Gz e Gs, cada um em
uma quantidade de desde 1 a 98 partes em peso, com base em 100 partes
em peso dos compostos totais presentes na mistura. Misturas de compostos
gue sao do mesmo modo preferidas compreendem Gg, G1 e Gz, ou, com
particular preferéncia, G+, G2 e Gz cada um em uma quantidade de desde 1
a 98 partes em peso, com base em 100 partes em peso dos compostos to-
tais presentes na mistura. Misturas particularmente preferidas dos compos-
tos compreendem, além de G, 3 outros compostos do grupo Go-Gs, por
exemplo, G1, Gz, G3 e Gg, especialmente G4, Ga, G3, G4 € Gs, cada um em
uma quantidade de desde 1 a 97 partes em peso, com base em 100 partes
em peso dos composios totais presentes na mistura. Proporcoes dos com-
postos individuais que sédo de particular interesse sdo em cada caso 1-90,
especialmente 1-80 partes em peso, em particular 5-80 partes em peso, com
base em 100 partes em peso dos compostos totais Go-Ge presentes na mis-
tura.

Componentes preferidos da mistura dos compostos da invengao
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sao aqueles em que X, Y e Z independentemente uns dos outros s&o -H, -T;,
ou D,

T+ e Tz independentemente uns dos outros sdo C4-Cqg alquila,
Cs-Cie cicloalquila, C+Cqg fenilalquila, C,-Cqg alquilfenila, fenila, naftila, bifeni-
lila, C2-C1s alquenila, Cs-Cy. cicloalquenila, C,-Cye alquinila; ou sdo C4-Cqs al-
quila, Cs-Cyz cicloalquila, C;-Cs fenilalquila, C;-Cys alquilfenila, fenila, naftila,
bifenilila, Co-C1g alquenila, Cs-Cyz cicloalquenila, C,-Cyp alquinila em cada caso
substituida por um ou mais D; ou sao C2-Cs alquila, C7-Cs fenilalquila, Cs-
Cig alquilfenila, Cs-Cyz cicloalquila, Cs-Cj, cicloalquenila ou C4-Cqg alquenila
em cada caso interrompida por um ou

mais E; ou sdo C,-Cso alquila, C3-Cjs alquenila, CCs alquilfenila,
Cs-Cy; cicloalquila, Cs-C12 cicloalquenila ou C+-Cqg fenilalguila que esta substi-
tuida por D e interrompida por E; D & -R, -OH, -OR, -NRR', -Hal, -CN, -COR,
-COOR, -COOM, -CONRR', -OCOR, -OCOOR, OCONRR', -NRCOR), -
NRCOOR', -NRCONR'R', oxiranila, -SOsH, -SOsM; E é -O-, -NR-, -CO-, -
COO-, -CONR-, -OCO-, -OCO0-, OCONR-, -NRCO-, -NRCOO-, -NRCONR'-;

R, R, R", R* independentemente uns dos outros sdo H, C1-Cso
alquila, Cs-Cj, cicloalquila, C7C1s fenilalquila, C7-C+s alquilfenila, fenila, nafti-
la, bitenilila, C,-Csp alquenila, Cs-Ciz cicloalquenila, Cx-Csp alquinila;

Hal é -F cu -Cl; e

M é um cétion de metal alcalino ou N(RR'R"R*)*.

T,, T2 e também R, R, R* e R" podem independentemente entre
si ser de cadeia reta ou ramificada.

Componentes particularmente preferidos da mistura dos com-
postos da invengéo sdo aqueles em que

Qé-T4, -COT4 ou -CONTTy;

X, Y e Z independentemente uns dos outros séo -H, -T4, D;

D é -R, -OH, -OR, -Hal, -COR, -COOR, -COOM, -CONRR,
-OCOR, -OCOOR, -OCONRR!', -SO3H, -SO3;M;

E é -O-, -CO-, -COO-, -CONR-, -OCO-, -OCOO0O-, OCONR-;

R, R, R" independentemente uns dos outros sdo H, C4-Cys al-

quila, cicloexila, ciclododecila, C+C1g fenilalquila, C7-Cis alquilfenila, fenila,
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C»2-Cpz alquenila; e

Hal é -F ou -Cl; e

M & Li, Na ou K.

Compostos da mistura de compostos da invengéao que sao prefe-
ridos em particular sdo aqueles em que

Q é -T,, -COT4, -CONTTy;

X, Y e Z ndependentemente uns dos outros sdo -H, -T+4, ou -D;

T1 e T2 independentemente uns dos outros sao C;-C+g alquila,
Cs-Cyz cicloalquila, C7-Cis fenilalquila, C7-Cis alquilfenila, fenila, natftila, bife-
nila, C2-C1g alquenila; ou sao C+-Cis alquila, cicloexila, C;-Cig fenilalquila, Cs-
Cis alquilfenila, fenila, Cs-Cp; alquenila em cada caso substituida por D; ou
sao C3-Cso alquila, C7-C1s fenilalquila, C7-C1g alquilfenila ou C4-C+g alquenila
interrompida por E; ou s@o C,-Csg alquila ou C4-C1s alquenila ou C7-Cys feni-
lalquila que esta substituida por D e interrompida por E;

D é -R, -OH, -OR, -Hal, -COR", -COOR, -COOM, -OCOCR",
-SO3H, -8S0:lM;

E é-0O-, -CO-, -COO0O-, -OCO-;

R & H, C:-Cys alquila, cicloexila, C-C1g fenilalquila, C+-Cqs al-
quilfeniia, fenila, Cs-Cp alquenila;

R" é H, C4-C+s alquila, cicloexila, C;-C+s fenilalquila, C7-C+s al-
quilfenila, fenila, Cs-C1z alquenila;

Hal é -F ou -Cl; e

M é Li, Na ou K,

especialmente aqueles em que

Q é -Tq; X, Y e Z independentemente uns dos outros sao -H, Cs-
Ciz alquila, C7-Cg fenilalquil ou C3-Cg alquenila; e T4 e T2 independentemente
uns dos outros sao C+-Cqs alquila, Cs-Cyz cicloalquila, C7-Cqg fenilalquila, Co-
Cis alquilfenila, fenila, naftila, bifenilila, C>-C1s alquenila; ou sdo C4-Cs al-
quila, cicloexila, C7-C1s fenilalquila, C;-C1s alquilfenila, fenila, Cs-Cy; alquenila
em cada caso substituida por D.

Componentes Go-Gs da mistura dos compostos da invengao po-

dem ser preparados por métodos conhecidos ou em analogia a tais méto-



10

15

20

25

10

dos. Tais métodos sdo descritos, por exemplo, na GB-A-975966, CH-A
484695. Os compostos da formula | podem também ser preparados em
analogia aqueles métodos especificados na EP-A 434608, uma das publica-
¢0es mencionadas no inicio, ou na publicagé@o por H. Brunetti e C.E. Luthi,
Helv. Chim. Acta 55, 1566 (1972). O ponto de partida & judiciosamente do
composto 2,4,6-tris(2,4-diidroxifenil)-1,3,5-triazina (trisresorcinoltriazina) ou
um derivado apropriadamente substituido deste composto (Go, composto de

partida da férmula I1). O composto de partida da formula

OH
Y.

X

Z

OH
2 OH | hi ";N X y {1

g

HO X HO OH
pode ser preparado, por exemplo, em analogia a EP-A-1 65608 por meio de
reacao de Friedel-Crafts Reaction de cloridrato cianarico ou haleto ciantrico
e os derivados de resorcinol correspondentes (que ja contém substituintes X,
Y e Z), X, Y e Z sendo como definido acima.

Trisresorcinoltriazina ndo substituida pode também estar substi-
tuida por introducao dos grupos X, Y e Z.

O composto de partida da férmula Il pode ser reagido ulterior-
mente de acordo com métodos conhecidos para resultar em compostos G-
Ge da férmula |; tais rea¢tes e métodos sdo descritos, por exemplo, na EP-A
434 608, pagina 15, linha 11 a pagina 17, linha 1. Onde haletos orgéanicos
Hal-Q ou sulfonatos Ts-S0O3-Q em que Hal é um atomo de halogénio e Ts é,
por exemplo, 4-tosila ou metila sdo usados para a reagcdo com o OH fendlico
livre do composto Gg, a reagao é judiciosamente conduzida na presenga de
um agente de ligagcdo de acido e um solvente apropriado. O uso de solven-
tes aprdéticos tal como diglima, por exemplo, € vantajoso. Preferéncia é dada

aos solventes de sulfoxido de dimetila, dimetilformamida (DMF), dimetilace-

tamida, acetona, etila, metila, cetona, etanol, metanol, isopropanol, diglima,
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agua, tolueno, xileno e suas misturas. Agentes de ligacéo de 4cido estabele-
cidos incluem bases tais como carbonatos e bicarbonatos ou alcéxidos, tal
como NaCQj;, KoCO3, etdéxido de Na, metdxido de Na ou terc-butéxido de
potassio ou hidretos de metal. Os produtos podem ser processados de modo
convencional, por exemplo, por separagcao do solvente e/ou realizagcado de
cristalizagédo e/ou destilagao.

Alternativamente, cloreto cianurico ou haleto cianurico pode ser

reagido com 3 equivalentes de um derivado de resarcinol da férmula
oaQ

99 por exempio, em analogia a EP-A 165608, para resultar Gs que
pode subseqlientemente ser reagido ulteriormente por clivagem de aigumas
das ligagdes O-Q (por exemplo, desalquilagdo por meio de AICI3) resultar em
dar compostos do tipo Go-Gs ou da mistura da invencgéo.

O estabilizador da invencao pode subsequentemente ser obtido
por misturagao de um composto do tipo Gz da férmula | com peio menos um
outro composto do tipo Go, G1 e/ou G3-Gs como descrito anteriormente aci-
ma. .

E particularmente vantajoso dirigir a etapa de alquilagdo ou aci-
lacao de tal modo que a mistura desejada seja formada partindo dos com-
postos da férmula il. Isto € a rota preferida para a preparagao de misturas da
formula [. Para esta finalidade, o composto de partida acima mencionada da
férmula 1l e judiciosamente reagido como descrito Hal-Q, vantajosamente na
presenca de uma base (por exemplo, carbonatos ou hidréxidos de metais
alcalinos ou metais alcalino-terrosos tais como Na, K, Ca, ou amobnia ou
aminas tal como trietilamina, dibutilamina ou tributilamina etc.) e de solvente
apropriado, exemplos sendo aqueles descritos acima; solventes particular-
mente preferidos s&o dimetilformamida (DMF), dimetilacetamida, N-
metilpirrolidona. Além deste solvente é também possivel usar um co-sol-
vente, vartajosamente selecionado de hidrocarbonetos alifaticos ou aromati-
cos, ésteres ou cetonas, tais como heptano, benzeno, tolueno, xileno, ace-
tato de butila, acetato de etila, efil metil cetona, metil isobutil cetona. Para a
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reacao, é preferido realizar aguecimento com agitacédo, por exemplo, a 40-
200°C, em particular a 80-150°C, em particular a 80-150°C, freqlientemente
por uma duragao de 1-10 h, especialmente 2-8 h. O grau desejado de rea-
¢ao € judiciosamente monitorado por meio de métodos analiticos habituais,
tal como cromatografia de camada de coluna (TLC) ou cromatografia liquida
de alto desempenho (HPLC), e a reacgdo € terminada quando o grau deseja-
do de reacédo é alcancgado, terminagao sendo eficaz, por exemplo, por redu-
¢do de temperatura, adicdo de agua, e/ou neutralizacdo. E possivel para
outras etapas de reacéo seguir, exemplos sendo transesterificacao, saponifi-
cagéo, formacéao de sal, esterificagao, eterificacdo. A mistura de compostos
da invencao € subsequentemente obtida, usualmente, seguindo remogao de
sais e/ou solvente(s), em alguns casos seguindo extragdo da mistura aquosa
com um solvente organico apropriado. Agentes de extracao apropriados por
sua vez sdo as substancias listadas acima como co-solventes possiveis.
Uma vantagem deste método é que o produto assim obtido pode em geral
ser usado como um estabilizador sem outra purificagao. E também possivel
usar a mistura obtida diretamente a partir da sintese.

Em certos casos uma etapa de purificagdo a jusante pode tam-
bém ser vantajosa: por exemplo, a filtragdo da solugdo da mistura de produ-
tos, judiciosamente se originando da extragido, sobre um auxiliar de filtracao
(por exemplo, sulfato de magnésio, sulfato de sédio, éxido de aluminio, ar-
gila, carvao ativado, silica-gel, etc.), especialmente quando um apeifeicoa-
mento em cor ou clareamento da mistura de produto € desejado. Destilagao,
precipitacéo e recristalizagdo sdo do mesmo modo possivel para a purifica-
cao.

Certos constituintes da mistura da invengéo sao compostos no-
vos. A invencdo, entdo, adicionalmente determinam compostos do tipo G1,
G2, G3; G4, G5 e G6 da formula Ill.
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em que

X, Y e Z independentemente uns dos outros sdo H, T4, OT4,
NT:Tz, ST4, SOT4, SO2T1, SONT T2, SOzH, SO3T, SO3M ou -D; onde

T+1 e To sdao C4-Csp alquila, Cs-Cye cicloalquila, C7-Cyg arilalquila,
C7-Cqg alquilarila, Cs-1g arila, C>-Csp alquenila, Cs-C+z cicloalquenila, C>-Cso
alquinila, Cs-C1z cicloalquinila, Cs-C1g bicicloalquila, Cs-C1g bicicloalquenila;
ou um destes radicais substituidos por um ou mais D e/ou, se desejado, in-
terrompidos por uma ou mais unidades E;

Tz & C1-Cso alquila, Co-Csg alquenila, Co-Cso alquinila; ou C4-Cso al-
quila, Cs-Cye cicloalquila, C7-Cqg arilalquila, C7-Cqg alquilarila, Ce-C1g arila, C2-Cso
alquenila, Cs-C42 cicloalquenila, C>-Csy alquinila, Cs-Ciz cicloalquinila, Cs-Cis
bicicloalquila, Cs-C1g bicicloalquenila em cada caso substituida por um ou mais
-SOR, -SO:R, -SO.NRR', -SO3H, -SOsM, -COR, -COOR, -COOCM, -CONRR),
-OCOR, -OCOOR, -OCONRR!, -NRCOR', -NRCOOR/, -NRCONR'R"-;

T4 é C4-Csp alquila, Cs-Cye cicloalquila, C7-Cqg arilalquila, C7-Cis
alquilarila, Ce-C1s arila, C>-Csp alguenila, Cs-Cq2 cicloalquenila, C>-Cso alqui-
nila, Cs-C+2 cicloalquinila, Cs-C;s bicicloalquila, Cs-C4s bicicloalquenila em
cada caso substituida por um ou mais -COOM e, se desejado, interrompida
por uma ou mais unidades E e/ou substituida por D;

D & selecionado de -R, -OH, -OR, -SR, -NRR', -NRSO:R', -SOR,
-SO2R, -SO:NRR, -803H, SOz;M, -Hal, -CN, -COR, -COOR, -COOM, -CONRR',
-OCOR, -OCOOR, -OCONRR', -NRCOR', -NRCOOR', -NRCONR'R";

E é selecionado de -O-, -S-, -NR-, -SO-, -S0.-, -SO:NR-, -CO-,
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-COO-, -CONR-, -OCO-, -O-C0O-O-, OCONR-, -NRCO-, -NR-COO- e
-NRCONR'-;

R, R', R" independentemente uns dos outros sdo H, C4-Csg al-
quila, Cs-Cs2 cicloalquila, C7-Cis arilalquila,

C7-Cis alquilarila, Cs-C1g arila, C»-Cso alquenila, Cs-Cy2 cicloal-
quenila, Cx>-Cso alquinila, Cs-Cy2 cicloalquinila, Cs-C1g bicicloalquila, Ce-Cis
bicicloalquenila;

Hal é -F, -ClI, -Br ou -1;

M & um cation de metal moncovalente, de preferéncia um cation
de metal alcalino, ou é N(RR'R"R*)",

especialmente aménio, ou é P(RR'R"R*)*;

€ em que, no composto

G, o radical R4 € Q¢ e Rz, R3, R4, Rs € Rs s80 cada um hidrogé-
nio;

G, os radicais Ry e Rz independentemente uns dos outros s&o
cada um Q; e Rs, R4, Rs @ Rg s2o cada um hidrogénio;

Gg, os radicais R4, Rz, e Rs independentemente uns dos outros
sdo cada um Q; e Ry, Rs e Bs s&o cada um hidrogénio;

G4, os radicais R4, Rz, Rs e R4 independentemente uns dos ou-
tros sao cada um Q3 e Rs e R sdo cada um hidrogénio;

Gs, os radicais Ry, Rz, Rs, Rs e Rs independentemente uns dos
outros sdo cada um Q3 e Rg € hidrogénio;

Gs, 0s radicais Ry, Rz, Rs, R4, Rs € Res independentemente uns
dos outros sao cada um Qg; e

Q, é-T4-COT4, -COH, -COOT,, cu -CONT4Ty; e

Q: é -Ts, -COT4, -COH, -COOT4, ou -CONT;Tz; &

Qs & -Ta.

Ts € de preferéncia C1-Cq35 alquila, C3-Ci alguenila, Cs alquinila;
ou C4-Cqgalquila, cicloexila,

C+-Cig fenilalquila, C-Cig alquilfenila, fenila em cada caso subs-
tituida por um ou mais -SOgzH, -SOz;M, -COOR, -COOM, -CONRR', -OCOR, -
OCONRR/, -NRCOR', -NRCOOR', ou -NRCONR'R';
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T4 & de preferéncia C+-Cqg alquila, cicloexila, C;-Cqs fenilalquila,
C7-C+g alquilfenila, Cs-C1g fenila em cada caso substituida por um ou mais
-COOM.

Outros substituintes dos novos compostos da férmula Il séo
como indicados anteriormente acima para os compostos G1-Gg da féormula I.

A invencao ulteriormente prové composi¢gdes compreendendo

A) um material organico sensivel a exposi¢cdo a luz, oxigénio
e/ou calor, e

B) como estabilizador, uma mistura de compostos da férmula |,

e também prové um método de estabilizacao de material organi-
co com relacdo a exposicao a luz, oxigénio e/ou calor, que compreende a
adic&o ou aplicagéo ao dito material da mistura de compostos da invencéo, e
também prové o uso de uma mistura de compostos da férmula | como esta-
bilizadores com relagdo a exposi¢édo a luz, oxigénio e/ou calor.

A mistura da invencido pode ser usada para proteger uma diver-
sidade de material organico sensivel a dano por luz, calor, oxigénio, etc;
exemplos incluem dleos, gorduras, ceras, acabamentos de automoével, re-
vestimento de madeira, tintas tais como tintas de emulsao ou tintas para
materiais de construgdo mineral tal como concreto ou asfalto, por exemplo,
material reprogréfico tais como fotografias, peliculas, tintas de impressao e
materiais de gravacio correspondentes, madeira ou material compreenden-
do madeira, papel, couro, plasticos e revestimentos sobre os mesmos, téx-
teis, cosméticos, composi¢cfes de protecado solar, peliculas de estufa, jane-
las, revestimentos de janelas ou peliculas de janelas (peliculas solares).
Possibilidades, incluem tanto a protecéo do préprio material, no qual a mistu-
ra de estabilizador da invengao € incorporada, quanto a protecac de material
ao qual a mistura de estabilizador da invencéo é aplicada ou diretamente ou
na forma de uma camada protetora. Exemplos de tais camadas protetoras
incluem revestimentos, camadas de topo de laminados, artigos impregna-
dos, e também coberturas, telas ou embalgem de todas as especies. Possi-
bilidades assim também incluem, por exemplo, a protecdao de semente, teci-

do de pele, cabelo ou coloragdes de cabelo, ou de substancias ativas tais
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como pesticidas, herbicidas ou fungicidas.

De particular interesse € o0 uso em materiais poliméricos, quando
estdo presentes em plasticos, borrachas, tintas, vernizes ou adesivos. Onde
o material a ser estabilizado compreende material fotografico, sua estrutura
& de preferéncia como descrito na patente U.S. n? 5538840 da coluna 25
linha 80 a coluna 106 linha 35, e a mistura da invengao da férmula | é em-
pregada em analogia ao emprego do composto da férmula (1) descrita na
patente U.S. n? 5538840, e/ou polimeros preparados a partir dele; as secdes
da patente U.S. n? 5538840 mencionadas sao consideradas parte da pre-
sente descricio.

Estabilizadores da inven¢do compreendendo compostos da fér-
mula | do tipo carboxilato e/ou sulfonato sao particularmente adequados para
estabilizacdo de composicdes de revestimento ou tintas de emulsao que sao
a base de agua, e também tintas para impressdo de jato de tinta.

Materiais preferidos que podem ser estabilizados de acordo com
a invencado sdo polimeros orgénicos sintéticos, pré-polimeros e material fo-
tografico. Pretende-se que o termo pré-polimeros signifigue aqueles com-
postos monomeéricos ou oligoméricos que podem ser convertidos na forma
de alta massa molecular (polimero) sob a influéncia de calor ou radiacao, por
exemplo, radiagao de UV, feixes de elétron ou raios X, e/ou sob a influéncia
de componentes quimicos tais como reticuladores, acopladores ou catalisa-
dores.

O estabilizador da invencéo é observavel em particular para uma
acao protetora exepcionalmente boa e também um alto nivel de compatibili-
dade com o material organico a ser estabilizado, e boas propriedades de
processamento. Muito particularmente, é adequado como um estabilizador
de luz (absorvedor de UV).

Exemplos de polimeros que podem ser estabilizador deste modo
S840 0s seguintes:

1. Polfmeros de monoolefinas e diolefinas, por exemplo, polipro-
pileno, poliisobutileno, polibut-1-eno, poli-4-metilpent-1-eno, poliisopreno ou

polibutadieno, bem como polimeros de cicloolefinas, por exemplo, de ciclo-
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penteno ou norbomeno, polietileno (que opcionalmente podem ser reticula-
dos), por exemplo, polietileno de alta densidade (HDPE), polietileno de alta
densidade e alto peso molecular (HDPE-HMW), polietileno de alta densidade
e de ultra-alto peso molecular (HDPE-UHMW), polistileno média densidade
(MDPE), polistileno de baixa densidade (LDPE), polietileno de baixa densi-
dade linear (LLDPE), (VLDPE) e (ULDPE).

Poliolefinas, isto &, os polimeros de monoolefinas exemplificados
no paragrafo precedente, de preferéncia polietileno e polipropileno, podem
ser preparadas por diferentes, especialmente pelos seguintes métodos:

a) polimerizacdo de radical (normalmente sob alta pressio e em
temperatura elevada).

b) polimerizacdao catalitica usando-se um catalisador que nor-
malmente contém um ou mais do que um metal de grupos |Vb, Vb, Vib ou
VIl da Tabela Periddica. Estes metais usualmente tém um ou mais do que
um ligando, tipicamente dxidos, haletos, alcoolatos, ésteres, éteres, aminas,
alquilas, alquenilas, e/ou arilas que podem ser ou ©- ou c-coordenado. Estes
complexos de metal podem estar na forma livre ou fixos sobre os substratos,
tipicamente sobre cloreto de magnésio ativado, cloreto de titanio(lll), alumina
ou éxido de silicto. Estes catalisadores podem ser solaveis ou insolUveis no
meio de polimerizacdo. Os catalisadores podem ser usados por eles préprios
na polimerizagao ou outros ativadores podem ser usados, tipicamente alqui-
las de metal, hidretos de metal, haletos de alquila de metal, 6xidos de alquila
de metal ou alquiloxanos de metal, os ditos metais sendo elementos dos
grupos la, lla e/ou Illa da Tabela Periédica. Os ativadores podem ser modifi-
cados convenientemente com outros grupos éter de silila, amina, éter ou
éster. Estes sistemas de catalisadores sdo usualmente chamados Phillips,
Standard Oil Indiana, Ziegler (-Natta), TNZ (DuPont), metaloceno ou catali-
sadores de Unico sitio (SSC).

2. Misturas dos polimeros mencionados sob 1), por exemplo,
misturas ‘de polipropileno com poliisobutileno, polipropileno com polietileno
(por exemplo, PP/HDPE, PP/LDPE) e misturas de diferentes tipos de polie-
tileno (por exemplo, LDPE/HDPE).
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3. Copolimeros de monoolefinas e diolefinas entre si ou com ou-
tros vinil monémeros, por exemplo, copolimeros de etileno/propileno, polieti-
leno de baixa densidade linear (LLDPE) e suas misturas com polietileno de
baixa densidade (LDPE), copolimeros de propileno/but-1-eno, copolimeros
de propileno/isobutileno, copolimeros de etileno/but-1-eno, copolimeros eti-
leno/hexeno, copolimeros de etileno/metilpenteno, copolimeros de etile-
no/hepteno, copolimeros de etileno/octeno, copolimeros de propile-
no/butadieno, copolimeros de isobutileno/isopreno, copolimeros de etile-
no/acrilato de alquila, copolimeros de etileno/metacrilato de alquila, copoli-
meros de etileno/acetato de vinila e seus copolimeros com mondxido de car-
bono ou copolimeros de etileno/acido acrilico e seus sais (ionémeros) bem
como terpolimeros de etileno com propileno e um dieno tal como hexadieno,
diciclopentadieno ou etilideno-norborneno; e misturas de tais copolimeros
uns com outros e com polimeros mencionados em 1) acima, por exemplo,
copolimeros de polipropileno/etileno-propileno, copolimeros de LDPE/etile-
no-vinila (EVA), copolimeros de LDPE/4cido etileno-acrilico (EAA), LLDPE/
EVA, LLDPE/EAA e copolimeros de polialquileno/mondxido de carbono al-
ternantes ou aleatdrios e suas misturas com outros polimeros, por exemplo,
poliamidas.

4. Resinas de hidrocarboneto (por exemplo, Cs-Cg) incluindo su-
as modificagBes hidrogenadas (por exemplo, espessantes) e misturas de
polialquilenos e amido.

5. Poliestireno, poli(p-metilestireno), poli(alfa-metilestireno}.

6. Copolimeros de estireno ou alfa-metilestireno com dienos ou
derivados acrilicos, por exemplo, estireno/butadieno, estireno/acrilonitrila,
estireno/metacrilato de alquila, estiren0/butadien'b/acrilato de alquila, estire-
no/butadieno/metacrilato de alquila, estireno/anidrido maléico, estireno/acri-
lonitrilta/acrilato de metila; misturas de de alto poder de impacto de copolime-
ros de estireno e um outro polimero, por exemplo, um poliacrilato, um poli-
mero de dieno ou um terpolimero de etileno/propileno/dieno; e copolimeros
por blocos de estireno tal como estireno/butadieno/estireno, estireno/isopre-

no/estireno, estireno/etileno/butileno/estireno ou estireno/etileno/propileno/
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estireno.

7. Copolimeros de enxerto de estireno ou alfa-metilestireno, por
exemplo, copolimeros de estireno sobre polibutadieno, estireno sobre poli-
butadieno-estireno ou polibutadieno-acrilonitrila; estireno e acrilonitrila (ou
metacrilonitrila) sobre polibutadieno; estireno, acrilonitrila e metacrilato de
metila sobre polibutadieno; estireno e anidrido maléico sobre polibutadieno;
estireno, acrilonitrila e anidrido maléico ou maleimida sobre polibutadieno;
estireno e maleimida sobre polibutadieno; estireno e metacrilatos ou acrilatos
de alquila sobre polibutadieno; estireno e acrilonitrila sobre terpolimeros de
etileno/propileno/dieno; estireno e acrilonitrila sobre poliacrilatos de alquila
ou polimetacrilatos de alquila, estireno e acrilonitrila sobre copolimeros de
acrilato/butadieno, bem como suas misturas com os copolimeros listados
sob 6), por exemplo, as misturas de copolimeros conhecidas como polime-
ros de ABS, MBS, ASA ou AES.

8. Polimeros contendo halogénio tais como policloropreno, bor-

-rachas cloradas, copolimero clorado e bromado de isobutileno-isopreno (bor-

racha de halobutila), polietileno clorado ou sulfo-clorado, copolimeros de
etileno e etileno clorado, homo- e copolimeros de epicloroidrina, especial-
mente polimeros de compostos de vinila contendo halogénio, por exemplo,
cloreto de polivinila, cloreto de polivinilideno, fluoreto de polivinila, fluoreto de
polivinilideno, bem como seus copolimeros tal como copolimeros de cloreto
de vinila/cloreto de vinilideno, de cloreto de vinila/acetato de vinila ou de clo-
reto de vinilideno/acetato de vinila.

9. Polimeros derivados de acidos alfa,beta-insaturados e seus
derivados tais como poliacrilatos e polimetacrilatos; metacrilatos de polime-
tila, poliacrilamidas e poliacrilonitrilas, modificados por impacto com acrilato
de butila.

10. Copolimeros dos mondmeros mencionados sob 9) uns com
outros ou outros mondmeros insaturados, por exemplo, copolimeros de
acrilonitrila/butadieno, copolimeros de acrilonitrila/acrilato de alquila, copoli-
meros de acrilonitrila/acrilato de alcoxialquila ou acrilonitrila/haleto de vinila

ou terpolimeros de acrilonitrila/metacrilato de alquila/butadieno.
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11. Polimeros derivados de alcoois insaturados e aminas ou 0s
derivados de acila ou seus acetais, por exemplo, alcool polivinilico, acetato
de polivinila, estearato de polivinila, benzoato de polivinila, maleato de polivi-
nila, butiral de polivinila, ftalato de polialil ftalato ou polialil melamina; bem
como seus copolimeros com olefinaas mencionados em 1) acima.

12. Homopolimeros e copolimeros de éter ciclico tal como poli-
alquileno glicéis, 6xido de polietileno, éxido de polipropilenc ou seus copoli-
meros com éteres de bisglicidila.

13. Poliacetais tais como polioximetileno e aqueles polioximetile-
nos que contém oxido de etileno como um comon&mero; poliacetais modifi-
cados com poliuretanos, acrilatos ou MBS termoplasticos.

14. Oxidos de polifenileno e sulfetos, e misturas de dxidos de
polifenileno com polimeros de estireno ou poliamidas.

15. Poliuretanos derivados de poliéteres terminados com hidro-
xila, poliésteres ou polibutadienos por um lado poIiisocianatbs alifaticos ou
aromaticos por outro lado, bem como seus precursores.

16. Poliamidas e copoliamidas derivadas de diaminas e acidos
dicarboxilicos e/ou de acidos aminocarboxilicos ou os lactamas correspon-
dentes, por exemplo, poliamida 4, poliamida 6, poliamida 6/6, 6/10, 6/9, 6/12,
4/6, 12/12, poliamida 11, poliamida 12, poliamidas aromaticas que partem de
m-xileno diamina e acido adipico; poliamidas preparadas a partir de hexa-
metilenodiamina e acido isoftalico ou/e tereftalico e com ou sem um elastd-
mero como medificador, por exemplo, poli-2,4 .4 -trimetilexametileno terefta-
lamida ou poli-m-fenileno isoftalamida; e também copolimeros por blocos
das poliamidas acima mencionadas com policlefinas, copolimeros de olefina,
iondmeros ou elastémeros enxertados ou quimicamente ligados; ou com po-
lidteres, por exemplo, com polietileno glicol, polipropileno glicol ou politetra-
metileno glicol; bem como poliamidas ou copoliamidas modificadas com
EPDM ou ABS; e poliamidas condensadas durante o processamento (siste-
mas de poliamida de RIM).

17. Poliuréias, polimidas, poliamida-imidas, polieterimidas, poli-

esterimidas, poliidantoinas e polibenzimidazéis.
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18. Poliésteres derivados de 4cidos dicarboxilicos e didis e/ou de
acidos hidroxicarboxilicos ou as lactonas correspondentes, por exemplo, po-
lietileno tereftalato, polibutileno tereftalato, poli-1,4-dimetilolcicloexano te-
reftalato, polialquileno naftalato (PAN) e poliidroxibenzoatos, bem como éste-
res de copoliéter por blocos derivados de poliéteres terminados com hidro-
xila; e também poliésteres modificados com policarbonatos ou MBS.

19. Policarbonatos e poliéster carbonatos.

20. Polissulfonas, poliéter sulfonas e poliéter cetonas.

21. Polimeros reticulados derivados de aldeidos por um lado e
fendis, uréias e melaminas por outro lado, tais como as resinas de fenol/ for-
maldeido, resinas de uréia/formaldeido e resinas de melamina/formaldeido.

22. Secagem e nao secagem de resinas alquidicas.

23. Resinas de poliéster insaturadas derivadas de copoliésteres
acidos diéarboxflico saturados ou insaturados com alcoois poliidricos e com-
postos de vinila como agentes de reticulacdo, e também suas modificagtes
contendo halogénio de baixa inflamabilidade.

24, Resinas acrilicas reticulaveis derivadas de acrilatos substi-
tuidos, por exemplo, epdxi acrilatos, uretano acrilatos ou poliéster acrilatos.

25. Resinas alquidicas, resinas de poliéster e resinas de acrilato
reticuladas com resinas de melamina, resinas de uréia, resinas de isociana-
tos, de isocianuratos, de poliisocianatos ou de epoxi.

26. Resinas de epdxi reticuladas derivadas de compostos de
glicidila alifaticos, cicloalfiaticos, heterociclicos ou aromaticos, por exemplo,
produtos de éteres de diglicidila de bisfenol A e de bisfenol F, que sao reti-
culados com endurecedores habituais tais como anidridos ou aminas, com
ou sem aceleradores.

27. Polimeros naturais tais como celulose, borracha, gelatina e
seus derivados homaélogos quimicamente modificados, por exemplo, aceta-

tos de celulose, propionatos de celulose e butiratos de celulose, ou os éteres

- de celulose tal como metil celulose; bem como colofénios e seus derivados.

28. Combinagdes dos polimeros acima mencionados (policombi-
nagdes) por exemplo, PP/EPDM, Poliamida/EPDM ou ABS, PVC/EVA,
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PVC/ABS, PVC/MBS, PC/ABS, PBTP/ABS, PC/ASA, PC/PBT, PVC/CPE,
PVC/acrilatos, POM/PUR termoplastico, PC/PUR termoplastico, POM/ acri-
lato, POM/MBS, PPO/HIPS, PPO/PA 6.6 e copolimeros, PA/HDPE, PA/ PP,
PA/PPO, PBT/PC/ABS ou PBT/PET/PC.

A quantidade de estabilizador a ser usada é dirigida pelo materi-
al organico a ser estabilizado e pelo uso pretendido do material estabilizado.
Em geral, a composi¢cédo da invengdo contém de 0,01 a 15, em particular de
0,05 a 10, e especialmente de 0,1 a 5 partes em peso do estabilizador (com-
ponente B) por 100 partes em peso do componente A.

Além do estabilizador da férmula I, as composicdes da invencéo
podem compreender outros estabilizadores ou outras adi¢gbes, tais como
antioxidantes, outros estabilizadores de luz, desativadores de metal, fosfitos
ou fosfonitos, por exemplo. Exemplos destes sao 0s seguintes estabilizado-
res
1. Antioxidantes

1.1. Monofendis alquilados, por exemplo, 2,6-di-terc-butil-4-
metilfenol, 2-terc-butil-4,6-dimetilfenol, 2,6-di-terc-butil-4-etilfenol, 2,6-di-terc-
butil-4-n-butilfenol, 2,6-di-terc-butil-4-isobutilfenol, 2,6-diciclopentil-4-metilfe-
nol, 2-(alfa-metilcicloexil)-4,6-dimetilfenol, 2,6-dioctadecil-4-metilfenol, 2,4,6-
tricicloexilfenol, 2,6-di-terc-butil-4-metdxi-metilfenol, nonilfendis que sao line-
ares ou ramificadas nas cadeias laterais, por exemplo, 2,6-dinonil-4-
metilfenol, 2,4-dimetil-6-(1'-metilundec-1*-il)fenol, 2,4-dimetil-6-(1'-metilepta-
dec-1'-il)fenol, 2,4-dimetil-6-(1'-metiltridec-1'-il)fenol e suas misturas.

1.2. Alquiltiometilfendis, por exemplo, 2,4-dioctiltiometil-6-terc-
butilfenaol, 2,4—dioctiItiometil-é-metilfenol, 2 4-dioctiltiometil-6-etilfenol, 2,6-di-
dodeciltiometil-4-nonilfenol.

1.3. Hidroquinonas e hidroquinonas alquiladas, por exemplo, 2,6-
di-terc-butil-4-metoxifenol, 2,5-di-terc-butilidroquinona, 2,5-di-terc-amilidro-
quinona, 2,6-difenil-4-octadeciloxifenol, 2,6-di-terc-butilidroquinona, 2,5-di-
terc-butil-4-hidroxianisol, 3,5-di-terc-butil-4-hidroxianisol, estearato de 3,5-di-
terc-butil-4-hidroxifenila, bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) adipato.

1.4. Tocoferdis, por exemplo, o-tocoferol, B-tocoferol, y-tocoferol,
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o-tocoferol e suas misturas (vitamina E).

1.5, Eteres de tiodifenila hidroxilados, por exemplo, 2,2'-ticbis(6-
terc-butil-4-metilfenol), 2,2'-tiobis(4-octilfenol), 4,4'-tiobis(6-terc-butil-3-metil-
fenol), 4,4'-tiobis(6-terc-butil-2-metilfenol), 4,4'-tiobis(3,6-di-sec-amilfenol),
4,4'-bis(2,6-dimetil-4-hidroxifenil)dissulfeto.

1.6. Alquilidenobisfendis, por exemplo, 2,2'-Metilenobis(6-terc-
butil-4-metilfenol), 2,2'-metilenobis(6-terc-butil-4-etilfenol), 2,2'-metilenobis[4-
metil-6-(a-metilcicloexil)fenol], 2,2'-metilenobis{4-metil-6-cicloexilfenol), 2,2'-
metilenonabis(6-nonil-4-metilfenol), 2,2'-metilenobis(4,6-di-terc-butilfenol), 2,2'-
etilidenobis(4,6-di-terc-butilfenol), 2,2'-etilidenobis(6-terc-butil-4-isobutilfenol),
2,2'-metilenobis[6-(alfa-metilbenzil)-4-nonilfenol], 2,2'-metilenobis[6-(alfa,alfa-
dimetilbenzil}-4-nonilfenol], 4,4'-metilenobis(2,6-di-terc-butilfenol), 4,4'-metile-
nobis(6-terc-butil-2-metilfenol), 1,1-bis(5-terc-butil-4-hidroxi-2-metilfenil)buta-
no, 2,6-bis(3-terc-butil-5-metil-2-hidroxibenzil}-4-metilfenol, 1,1,3-tris(5-terc-
butil-4-hidréxi-2-metilfenil)butano, 1,1-bis(5-terc-butil-4-hidréxi-2-metilfenil)-3-
n-dodecilmercaptobutano, etileno glicol bis[3,3-bis(3'-terc-butil-4'-hidroxife-
nil}butirato], bis(3-terc-butil-4-hidréxi-5-metil-fenil)diciclopentadieno, bis[2-(3'-
terc-butil-2'-hidréxi-5'-metilbenzil)-6-terc-butil-4-metilfeniljtereftalato, 1,1-bis-
(3,5-dimetil-2-hidroxifenil)butano, 2,2-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propa-
no, 2,2-bis-(5-terc-butil-4-hidréxi-2-metilfenil)-4-n-dodecilmercaptobutano, 1,
1,5,5-tetra(5-terc-butil-4-hidréxi-2-metilfenil) pentano.

1.7. Compostos de O-, N- e S-benzila, por exemplo, éter de
3,5,3',5'-tetra-terc-butil-4,4'-diidroxidibenzila, ~ octadecil-4-hidroxi-3,5-dimetil-
benzilmercaptoacetato, tridecil-4-hidréxi-3,5-di-terc-butilbenzilmercaptoaceta-
to, tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)amina, bis(4-terc-butil-3-hidréxi-2,6-
dimetilbenzil)ditiotereftalato, bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)sulfeto, iso-
octil-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenziimercaptoacetato.

1.8. Malonatos de hidroxibenzilados, por exemplo, dioctadecil-
2,2-bis(3,5-di-terc-butil-2-hidroxibenzilymalonato, di-octadecil-2-(3-terc-butil-
4-hidréxi-5-metilbenzil)malonato, didodeciimercaptoetil-2,2-bis(3,5-di-terc-bu-
til-4-hidroxibenzil)malonato, bis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-2,2-bis(3,5-di-

terc-butil-4-hidroxibenzil)malonato.
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1.9. Compostos de hidrobenzila aromaticos, por exemplo, 1,3,5-
tris(3,5-di-terc-butil-4-hidréxi-benzil)-2,4,6-trimetilbenzeno, 1,4-bis(3,5-di-terc-
butil-4-hidroxibenzil)-2,3,5,6-tetrametiloenzeno,  2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-
hidroxibenzil)fenol.

1.10. Compostos de triazina, por exemplo, 2,4-bis(octilmer-
capto)-6-(3,5-di-terc-butil-4-hidréxi-anilino)-1,3,5-triazina, 2-octilmercapto-
4,6-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxianilino)-1,3,5-triazina, 2-octiimercapto-4,6-
bis(3,5-di~terc-butil-4-hidroxifendxi)-1,3,5-triazina, 2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-
hidroxifenéxi)-1,2,3-triazina, 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)isocia-
nurato, 1,3,5-tris(4-terc-butil-3-hidréxi-2,6-dimetilbenzil)isocianurato, 2,4,6-
tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifeniletil)-1,3,5-triazina, 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-
4-hidroxifenilpropionil}-hexaidro-1,3,5-triazina,  1,3,5-tris(3,5-dicicloexil-4-hi-
droxibenzil)isocianurato.

1.11. Benzilfosfonatos, por exemplo, dimetil-2,5-di-terc-butil-4-
hidroxibenzilfosfonato, dietil-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzilfosfonato, dioc-
tadecil-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzilfosfonato, dioctadecil-5-terc-butil-4-hi-
droxi-3-metilbenzilfosfonato, o sal de calcio do éster de monoetila de acido
3,5-di-terc-buti|-4jhidroxibenzilfosfénico.

1.12. Acilaminofendis, por exemplo, 4-hidroxilauranilida, 4-hi-
droxistearanilida, octil N(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)carbamato.

1.13. Esteres de &cido beta-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)pro-
pidnico com &alcoois mono- ou poliidricos, por exemplo, com metanol, etanol,
n-octanol, i-octanol, octadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonanodiol, etileno gli-
col, 1,2-propancodicl, neopentil glicol, tiodietileno glicol, dietileno glicol, trieti-
leno glicol, pentaeritritol, tris(hidroxietil)isocianurato, N,N'-bis(hidroxi-
etil)oxamida, 3-tiaundecanol, 3-tiapentadecanol, trimetilexanodiol, trimetilol-
propano, 4-hidroximetil-1-fosfa-2,6,7-trioxabiciclo[2.2.2]octano.

1.14. Esteres de &cido beta-(5-terc-butil-4-hidréxi-3-metilfenil)-
propidnico com alcoois mono- ou poliidricos, por exemplo, com metanol,
etanol, n-octanol, i-octanol, octadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonanodiol,
etileno glicol, 1,2-propanodiol, neopentil glicol, tiodietileno glicol, dietileno

glicol, trietileno glicol, pentaeritritol, tris(hidroxietil)isocianurato, N,N'-
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bis(hidroxietil)oxamida, 3-tiaundecanol, 3-tiapentadecanol, trimetilexanodiol,
trimetilolpropano, 4-hidroximetil-I-fosfa-2,6,7-trioxabiciclo[2.2.2]octano; 3,9-
bis[2-(3-(3-tercbutil-4-hidréxi-5-metilfenil) propioniléxi)-1, 1-dimetiletil}-2,4,8,10-
tetraoxaspiro[5.5]Jundecano.

1.15. Esteres de acido 5-(3,5-dicicloexil-4-hidroxifenil)propidnico
com alcoois mono- ou poliidricos, por exemplo, com metanol, etanol, octanol,
octadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonanodiol, etileno glicol, 1,2-propanodiol,
neopentil glicol, tiodietileno dlicol, dietileno glicol, trietileno glicol, pentaeritri-
tol, tris(hidroxietil)isocianurato, N,N'-bis(hidroxietil)oxamida, 3-tiaundecanol,
3-tiapentadecanol, trimetilexanodiol, trimetilolpropano, 4-hidroximetil-1 -fosfa-
2,6,7-trioxabiciclo[2.2.2]octano.

1.16. Esteres de &cido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenila acético
com alcoois mono- ou poliidricos, por exemplo, com metanol, etanol, octanol,
octadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonancodiol, etileno glicol, 1,2-propanodiol,
neopentil glicol, tiodietileno glicol, dietileno glicol, trietileno glicol, pentaeritri-
tol, tris(hidroxietil)isocianurato, N,N'-bis(hidroxietil)oxamida, 3-tiaundecanol,
3-tiapentadecanol, trimetilexanodiol, trimetilolpropano, 4-hidroximetil-I-fosfa-
2,6,7-trioxabiciclo[2.2.2]octano.

1.17. Amidas de &cido B-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propidni-
co, por exemplo, N,N'-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenilpropionil)hexametile-
nodiamida, N,N'-bis(3,5-di-terc-buti1-4-hidroxifenilpropioniljtrimetilenodiami-
da, N,N'-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenilpropionil)hidrazida, N,N'-bis[2-(3-
[3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil]propioniléxi)etilloxamida (Naugard® XL-1, for-
necido pela Uniroyal).

1.18. Acido ascérbico (vitamina C)

1.19. Antioxidantes aminicos, por exemplo, N,N'-di-isopropil-p-
fenilenodiamina, N,N'-di-sec-butil-p-fenilenodiamina, N,N'-bis(1,4-dimetilpen-
til)-p-fenilenodiamina, N,N'-bis(l-etil-3-metilpentil)-p-fenilenodiamina, N,N'-
bis(l-metileptil)-p-fenilenodiamina, N,N'-dicicloexil-p-fenilencdiamina, N,N'-
difenil-p-fenilenodiamina, N,N'-bis(2-naftil)-p~fenilenodiamina, N-isopropil-N'-
fenil-p-fen'rlenodiam'lna, N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilencdiamina, N-(1-

metileptil}-N'-fenil-p-fenilenodiamina, N-cicloexil-N'fenil-p-fenilenodiamina, 4-
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(p-toluenossulfamoil)difenilamina, N,N’-dimetii-N,N’-di-sec-butil-p-fenilenodia-
mina, difenilamina, N-alildifenilamina, 4-isopropdxidifenilamina, N-fenil-I-
naftilamina, N-(4-terc-octilfenil)-I-naftilamina, N-fenil-2-naftilamina, difenilami-
na octilada, por exemplo, p,p'-di-terc-octildifenilamina, 4-n-butilaminofenol, 4-
butilaminofenol, 4-nonanocilaminofenol, 4-dodecanoilaminofenol, 4-octade-
canoilaminofenol, bis(4-metoxifenil)amina, 2,6-di-terc-butil-4-dimetilaminome-
tilfenol, 2,4'-diaminodifeniimetano, 4,4'-diaminodifenilmetano, N,N,N' N'-tetra-
metil-4,4'-diaminodifenilmetano, 1,2-bis[(2-metilfenil)amino]etano, 1,2-bis(fe-
nilamino)propano, (o-tolil)biguanida, bis[4-(I',3'-dimetilbutil)fenilJamina, N-
fenil-l-naftilamina tercoctilada, uma mistura de terc-butil/tercoctildifenilaminas
mono- e dialquiladas, uma mistura de nonildifenilaminas mono- e dialquila-
das, uma mistura de dodecildifenilaminas mono- e dialquiladas, uma mistura
de isopropil/isoexildifenilaminas mono- e dialquiladas, uma mistura de terc-
butiidifenilaminas mono- e dialquiladas, 2,3-diidro-3,3-dimetil-4H-1,4-benzo-
tiazina, fenotiazina, uma mistura de terc-butiliterc-octilfenotiazinas mono- e
dialquiladas, uma mistura de terc-octilfenotiazinas mono- e dialquiladas, N-
alilfenotiazina, N,N,N',N'-tetrafenil-1,4-diaminobut-2-eno, N,N-bis(2,2,6,6-
tetrametil-piperid-4-il-hexametilenodiamina, bis(2,2,6,6-tetrametilpiperid-4-il)-
sebacato, 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ona, 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol.

2. Absorvedores de UV e estabilizadores de luz

2.1. 2-(2'-Hidroxifenil)benzotriazdis, por exemplo, 2-(2'-hidrdxi-5'-
metilfenil)benzotriazol, 2-(3',5'-di-terc-butil-2'-hidroxifenil)benzotriazol, 2-(5'-
terc-butil-2'-hidroxifenil)benzotriazol, 2-(2'-hidréxi-5'-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fe-
nil)benzotriazol, 2-(3',5'-diterc-butil-2'-hidroxifenil)-5-clorobenzotriazol, 2-(3'-
terc-butil-2'-hidréxi-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazol, 2-(3'-sec-butil-5'-terc-bu-
til-2'-hidroxifenil)benzotriazol, 2-(2'hidréxi-4'-octiloxifenil)benzotriazol, 2-(3',5'-
di-terc-amil-2'-hidroxifenil}benzotriazol, 2-(3',5'-bis(alfa,alfa-dimetilbenzil})-2'-
hidroxifenil)benzotriazol, 2-(3'-terc-butil-2'-hidrdxi-5'(2-octiloxicarboniletil)fe-
nil)-5-clorobenzotriazol, 2-(3'-terc-butil-5'-[2-(2-etilexildxi)carboniletil]-2'-hi-
droxifenil)}-5-clorobenzotriazol, 2-(3"-terc-butil-2'-hidréxi-5'-(2-metoxicarbonile-
til)fenil)-5-clorobenzotriazol,  2-(3'-terc-butil-2'-hidréxi-5'-(2-metoxicarbonile-

tihfenil)benzotriazol,  2-(3'-terc-butil-2'-hidréxi-5'-(2-octiloxicarboniletil}fenil)-
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benzotriazol, 2-(3'-terc-butil-5'-[2-(2-etilexiléxi)carboniletil]-2'-hidroxifenil)ben-
zotriazol, 2-(3'-dodecil-2'-hidréxi-5'-metilfenil)benzotriazol, 2-(3'-terc-butil-2'-
hidréxi-5'-(2-isooctiloxicarboniletil)fenilbenzotriazol, 2,2'-metilenobis[4-(1,1,3,
3-tetrametilbutil)-6-benzotriazol-2-ilfenol]; o produto de transesterificagdo de
2-[3"-terc-butil-5'-(2-metoxicarboniletil)-2'-hidroxifenil-2H-benzotriazol com

. . R—CH,CH;—COO—CH,CH .
polietileno glicol 300; [ zr 2 R 2—}5 ,onde R = 3'-terc-butil-4'-

hidroxi-5'-2H-benzotriazol-2-ilfenila, 2-[2'-hidrdxi-3'-(alfa,alfa-dimetilbenzil)-5'-
(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]l-benzotriazol;  2-[2'-hidréxi-3'-(1,1,3,3-tetrametil-
butil)-5'-(alfa,alfa~-dimetilbenzil)fenil]lbenzotriazol.

2.2. 2-Hidroxibenzofenonas, por exemplo, os derivados de 4-
hidréxi, de 4-metdxi, de 4-octiléxi, de 4-deciléxi, de 4-dodeciloxi, de 4-
benziléxi, de 4,2',4'-triidréxi e de 2'-hidréxi-4,4'-dimetdxi.

2.3. Esteres de &cidos benzéicos substituidos ou ndo substitui-
dos, por exemplo, 4-terc-butilfenila salicilato, fenil salicilato, octilfenil salicila-
to, dibenzoil resorcinol, bis(4-terc-butilbenzoil)resorcinol, benzoil resorcinol,
2,4-di-terc-butilfenila, 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato, hexadecil 3,5-di-
terc-butil-4-hidroxibenzoato, octadecil 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato, 2-
metil-4,6-di-terc-butilfenila, 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato.

2.4. Acrilatos, por exemplo, etil alfa-ciano-beta,beta-difenila-
crilato, isooctil alfa-ciano-beta,beta-difenilacrilato, metil alfa-carbometoxici-
namato, metil alfa-cianc-beta-metil-p-metoxicinamato, butil alfa-ciano-beta-
metii-p-metoxicinamato, metil alfa-carbometdxi-p-metoxicinamato e N-(beta-
carbometoxi-beta-cianovinil)-2-metilindolina.

2.5, Compostos de niguel, por exempio, complexos de niquel de
2,2'-tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol], tal como o complexo de 1:1 ou 1:2,
com ou sem ligandos adicionais tais como n-butilamina, trietanolamina ou N-
cicloexildietanolamina, dibutiiditiocarbamato de niquel, sais de niquel dos
ésteres de monoalquila, por exemplo, o éster de metila ou etila, de acido 4-
hidroxi-3,5-di-terc-butilbenzilfosfonico, complexos de niquel de cetoximas,
por exemplo, de 2-hidréxi-4-metilfenilundecilcetoxima, complexos de niquel
de 1-fenil-4-lauroil-5-hidroxipirazol, com ou sem ligandos adicionais.

2.6. Aminas estericamente impedidas, por exemplo, bis(2,2,6,6-
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tetrametil-4-piperidil)sebacato, bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)succinato, bis-
(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato, bis(1-octiléxi-2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidil)sebacato, bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) n-butii-3,5-di-terc-butil-
4-hidroxibenzilmalonato, o condensado de 1-(2-hidroxietil)2,2,6,6-tetrametil-4-
hidroxipiperidina e acido succinico, condensados lineares ciclicos de N,N'-
bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)hexametilenodiamina e 4-terc-octilamino-2,6-
di-cloro-1,3,5-triazina, tris(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)nitrilotriacetato, tetra-
quis{2,2,8,6-tetrametil-4-piperidil}-1,2,3,4-butanotetracarboxilato, 1,1'-(1,2-eta-
nodiil)-bis(3,3,5,5-tetrametilpiperazinona), 4-benzoil-2,2,6,6-tetrametilpiperidi-
na, 4-esteariléxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina, bis(1,2,2,6,6-pentametilpiperidil)-
2-n-butil-2-(2-hidréxi-3,5-di-terc-butilbenzil)malonato, 3-n-ocitil-7,7,9,9-tetrame-
til-1,3,8-triazaspiro[4.5]decano-2,4-diona, bis(l-octildéxi-2,2,6,6-tetrametilpiperi-
dil)sebacato, bis(l-octiloxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidil)succinato, condensados
lineares ou ciclicos de N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)hexametilenodia-
mina e 4-morfolino-2,6-dicloro-1,3,5-triazina, o condensado de 2-cloro-4,6-
bis(4-n-butilamino-2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-1,3,5-triazina e 1,2-bis(3-amino-
propilamino)etano, o condensado de 2-cloro-4,6-di-(4-n-butilamino-1,2,2,6,6-
pentametilpiperidil)1,3,5-triazina e 1,2-bis(3-aminopropilamino)etano, 8-acetil-
3-dodecil-7,7,9,9-tetrametil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decano-2,4-diona, 3-dodecil-
1-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)pirrolidina-2,5-diona, 3-dodecil-1-(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)pirrolidina-2,5-diona, uma mistura de 4-hexadeciloxi- e 4-
esteariloxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina, um condensado de N,N'-bis(2,2,6,6-te-
trametil-4-piperidil)hexametilencdiamina e 4-cicloexilamino-2,6-dicloro-1,3,5-
triazina, um condensado de 1,2-bis(3-aminopropilamino)etano e 2,4,6-tricloro-
1,3,5-triazina bem como 4-butilamino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina (CAS Reg.
N2 [136504-96-6]); um condensado de 1,6-hexancdiamina e 2,4,6-tricloro-
1,3,5-triazina bem como N,N-dibutilamina e 4-butilamino-2,2,6,6-tetrametil-
piperidina (CAS Reg. N2 [1 9226864-71); N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-n-
dodecilsuccinimida, N-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-n-dodecilsuccinimida,
2-undecil-7,7,9,9-tetrametil-1-oxa-3,8-diaza-4-oxo-spiro[4,5]decano, um pro-
duto de reacao de 7,7,9,9-tetrametil-2-cicloundecil- 1-oxa-3,8-diaza-4-oxospiro-

[4,5]decano e epicloridrina, 1,1-bis(1,2,2,68,6-pentametil-4-piperidiloxicarbonil)-
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2-(4-metoxifanil)eteno,  N,N-bis-formil-N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-
hexametilenodiamina, um diéster de acido 4-metoximetilenomaldnico com
1,2,2,6,6-pentametil-4-hidroxipiperidina, poliimetilpropil-3-6xi-4-(2,2,6,6-tetra-
meti1-4-piperidil)jsiloxano, um produto de reagcdo de composto de anidrido-
alfa-olefina de acido maléico com 2,2,6,6-tetrametil-4-aminopiperidina ou
1,2,2,6,6-pentametil-4-aminopiperidina.

2.7. Oxamidas, por exemplo, 4,4'-dioctiloxioxanilida, 2,2'-
dietoxioxanilida, 2,2'-dioctiléxi-5,5'-di-terc-butoxanilida, 2,2'-didodecildxi-5,5'-
di-terc-butoxanilida, 2-etéxi-2'-etiloxanilida, N,N'-bis(3-dimetilaminopropil)-
oxamida, 2-etdxi-5-terc-butil-2'-etoxanilida e sua mistura com 2-etéxi-2'-etil-
5,4'-di-terc-butoxanilida, misturas de oxanilidas o- e p-metdxi-dissubstituidas
e misturas de oxanilidas o- e p-etéxi- dissubstituidas.

2.8. 2-(2-Hidroxifenil)-1,3,5-triazinas, por exemplo, 2,4,6-tris(2-
hidréxi-4-octiloxifenil)1,3,5-triazina, 2-(2-hidréxi-4-octiloxifenil)-4,6-bis(2,4-di-
metilfenil)-1,3,5-triazina, 2-(2,4-diidroxifenil)-4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-tri-
azina, 2,4-bis(2-hidréxi-4-propiloxifenil}-6-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazina, 2-
(2-hidréxi-4-octiloxifenil)-4,6-bis(4-metilfenil)-1,3,5-triazina, 2-(2-hidréxi-4-do-
deciloxifenil)-4,6-bis(2,4-dimetilfenii)1,3,5-triazina, 2-(2-hidréxi-4-trideciloxife-
nil)-4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazina, 2(2-hidréxi-4-(2-hidréxi-3-butiloxi-
propéxi)fenil]-4,6-bis(2,4-dimetil)-1,3,5-triazina, 2-[2-hidréxi-4-(2-hidréxi-3-
octiloxipropiléxi)fenil]-4,6-bis(2,4-dimetil)-1,3,5-triazina, 2-[4(dodeciléxi/tride-
ciloxi-2-hidroxipropdxi)-2-hidroxifenil]-4,6-bis(2,4-dimetilfenil)1,3,5-triazina, 2-
[2-hidréxi-4-(2-hidréxi-3-dodeciloxipropoéxi)fenil]-4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-
triazina, 2-(2-hidréxi-4-hexildéxi)fenil-4,6-difenil-1,3,5-triazina, 2-(2-hidréxi-4-
metoxifenil)-4,6-difenil-1,3,5-triazina, 2,4,6-tris[2-hidréxi-4-(3-butdxi-2-hidroxi-
propéxiYfenil]-1,3,5-triazina,  2-(2-hidroxifenil)-4-(4-metoxifenil)-6-fenil-1,3,5-
triazina, 2-[2-hidroxi-4-[3-(2-etilexil-1-6xi)-2-hidroxipropiléxijfenil-4,6-bis(2,4-
dimetilfenii)-1,3,5-triazina.

3. Desativadores de metal, por exemplo, N,N'-difeniloxamida, N-
salicilal-N'-saliciloil hidrazina, N,N'-bis(saliciloil)hidrazina, N,N'-bis(3,5-di-terc-
butil-4-hidroxifenilpropionil)hidrazina, 3-saliciloilamino-1,2,4-triazol, bis(benzi-

lideno)oxalil diidrazida, oxanilida, isoftaloil diidrazida, sebacoil bisfenilidrazi-
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bis(saliciloil)tiopropionil diidrazida.

4, Fosfitos e fosfonitos, por exemplo, trifenil fosfato, difenilalquil
fosfatos, fenildialquil fosfatos, tris(nonilfenil) fosfato, trilauril fosfato, trioctade-
cil fosfito, distearilpentaeritritol difosfito, tris(2,4-di-terc-butilfenil} fosfato, dii-
sodecila pentaeritritol difosfito, bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritritol difosfito,
bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosfito, bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pen-
taeritritol difosfito, diisodeciloxipentaeritritol difosfito, bis(2,4-di-terc-butil-6-
metilfenil)pentaeritritol difosfito, bis(2,4,6-tris(terc-butilfenil)pentaeritritol  di-
fosfito, tristearil sorbitol trifosfito, tetraquis(2,4-di-terc-butilfenil) 4,4’-bifenileno
difosfonito, 6-isooctiléxi-2,4,8,10-tetra-terc-butil-12H-dibenz[d,g]-1,3,2-dioxa-
fosfocina, bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil)metil fosfito, bis(2,4-di-terc-butil-6-
metilfenil)etil fosfito, 6-flior-2,4,8,10-tetra-terc-butil-12-metil-dibenz[d,g]-1,3,
2-dioxafosfocina, 2,2' 2"-nitrilo[trietiltris(3,3',5,5'-tetra-terc-butil-1,1'-bifenil-
2,2'-diil)yfosfito], 2-etilexil(3,3',5,5'-tetra-terc-butil-1,I'-bifenil-2,2'-diil) fosfito, 5-
butil-5-etil-2-(2,4,6-tri-terc-butilfendxi)-1,3,2-dioxafosfirano.

Os seguintes fosfitos sao especialmente preferidos:

Tris(2,4-di-terc-butiifenil) fosfito (lrgafos® 168, Ciba-Geigy),

tris(nonilfenil)fosfito,
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5. Hidroxilaminas, por exemplo, N, N-dibenzilidroxilamina, N,N-
dietilidroxilamina, N,N-dioctilidroxilamina, N,N-dilaurilidroxilamina, N,N-dite-
tradecilidroxilamina, N,N-diexadecilidroxilamina, N,N-dioctadecilidroxiiamina,
N-hexadecil-N-octadecilidroxilamina,  N-heptadecil-N-octadecilidroxilamina,
N,N-dialquilidroxilamina derivada de sebo amina hidrogenada.

6. Nitronas, por exemplo, N-benzil-alfa-fenilnitrona, N-etil-alfa-
metilnitrona, N-octilalfa-heptilnitrona, N-lauril-alfa-undecilnitrona, N-tetradecil-
alfa-tridecilnitrona, N-hexadecil-alfa-pentadecilnitrona, N-octadecil-alfa-hep-
tadecilnitrona, N-hexadecil-alfa-heptadecilnitrona, N-ocatadecil-alfa-pentade-
cilnitrona, N-heptadecil-alfa-heptadecilnitrona, N-octadecil-alfa-hexadecilni-
trona, nitrona derivada de N,N-dialquilidroxil-amina derivada de sebo amina
hidrogenada.

7. Tiossinerigocos, por exempio, dilauril tiodipropionato ou diste-
aril tiodipropionato.

8. Seqliestrante de peréxido, por exemplo, ésteres de acido be-
ta-tiodipropidnico, por exemplo, os ésteres de laurila, de estearila, de miristila
ou de tridecila, mercaptobenzimidazol ou o sal de zinco de 2-mercapto-

benzimidazol, dibutilditiocarbamato de zinco, dioctadecil dissulfeto, pentaeri-
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tritol tetraquis(beta-dodecilmercapto)propionato.

9. Estabilizadoers de poliamida, por exemplo, sais de cobre em
combinagao com iodetos e/ou compostos de fésforo e sais de manganés
divalente.

10. Co-estabilizadores basicos, por exemplo, melamina, polivi-
nilpirrolidona, diciandiamida, trialil cianurato, derivados de uréia, derivados
de hidrazina, aminas, poliamidas, poliuretanos, sais de metal alcalino e sais
de metal alcalino-terroso de acidos graxos superiores, por exemplo, estea-
rato de calcio, estearato de zinco, beénato de magnésio, estearato de mag-
neésio, ricinoleato de sédio e palmitato de potadssio, pirocatecolato de antimo-
nio ou pirocatecolato de zinco.

11. Agentes de nucleacao, por exemplo, substincias inorgéni-
cas, tal como talco, éxidos de metal, tais como didéxido de titAnio ou oxido de
magnesio, fosfatos, carbonatos ou sulfatos, de preferéncia, metais alcalino-
terrosos; compostos organicos, tais como acidos mono- ou policarboxilicos e
seus sais, por exemplo, acido 4-terc-butilbenzdico, acido adipico, acido dife-
nilacético, succinato de sodio ou benzoato de sédio; compostos poliméricos,
tais como copolimeros idhicos (iondmeros). Especialmente preferidos sao
1,3:2,4-bis(3',4'-dimetilbenzilideno)sorbitol, 1,3,2,4-di(parametildibenzilide-
no)sorbitol, e 1,3:2,4-di(benzilideno)sorbitol.

12. Materiais de enchimento e agentes de reforgo, por exemplo,
carbonato de cdlcio, silicatos, fibras de vidro, bulbos de vidro, amiantos, tal-
cos, caulin, mica, sulfato de bario, hidréxidos ou Oxidos de metal, negro-de-
fumo, grafite, farinha e flocos ou fibras de madeira de outros produtos natu-
rais, fibras sintéticas.

13. Outros aditivos, por exemplo, plastificantes, lubrificantes,
emulsificadores, pigmentos, aditivos de reologia, catalisadores, agentes de
controle de fluxo, abrilhantadores dticos, agentes a prova de fogo, agentes
antiestaticos e agentes de expanséo.

- 14.Benzofuranonas e indolinonas, por exemplo, aquelas descri-
tas na U.S. 4.325.863; U.S. 4.338.244; na U.S. 5.175.312; na U.S.
5.216.052; na U.S. 5.252.643; na DE-A-431661 1; na DE-A-4316622; na DE-
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A-4316876; na EP-A-0589839 ou na EP-A-0591102 ou 3-[4-(2-acetoxi-
etoxi)fenil]-5,7-di-terc-butil-benzofuran-2-ona, 5,7-di-terc-butil-3-[4-(2-estea-
roiloxietdxi)fenillbenzofuran-2-ona, 3,3'-bis[5,7-di-terc-butil-3-(4-[2-hidroxi-
etoxilfenil)benzofuran-2-ona, 5,7-di-terc-butil-3-(4-etoxifenil)benzofuran-2-
ona, 3-(4-acetdxi-3,5-dimetilfenil)-5,7-di-terc-butil-benzofuran-2-ona, 3-(3,5-
dimetil-4-pivaloiloxifenil}-5,7-di-terc-butiibenzofuran-2-ona,  3-(3,4-dimetilfe-
nil)-5,7-di-terc-butil-benzofuran-2-ona, 3-(2,3-dimetilfenil)-5,7-di-terc-butil-
benzofuran-2-ona.

A quantidade e a natureza dos outros estabilizadores adiciona-
dos sao determinadas pela natureza do substrato a ser estabilizado e por
seu uso pretendido; em muitos casos de 0,1 a 5% em peso, com base no
material organico a ser estabilizado, sao usados.

Com vantagem particular, o estabilizador da invengao pode ser
usado em composicoes compreendendo como o componente A um polimero
organico sintético, especialmente um polimero termoplastico, ou um agluti-
nante para materiais de revestimentos tais como tintas, por exemplo, ou um
material reprografico, especialmente material fotografico.

O material reprogréafico, especialmente material fotografico colo-
rido, a ser estabilizado com vantagem de acordo com a presente invengéo &,
por exemplo, material como descrito na Research Disclosure 1990, 31429
(pags. 474-480), na patente U.S. n? A-5538840 colunas 26 a 108, na GB-A
2319523 ou na DE-A 197509006, pag. 22, linha 15 a pag. 105 linha 32.

Preferéncia é dada para o uso em uma camada compreendendo haleto de

" prata ou na camada protetora de um material fotografico colorido, especial-

mente de uma pelicula colorida ou de um papel fotografico colorido.
Polimeros termoplasticos adequados, por exemplo, poliolefinas

(por exemplo, como por 1.-3. da lista acima) e também polimeros contendo

heteroatomos na cadeia principal, tais como polimeros termoplasticos con-

tendo nitrogénio, oxigénio e/ou enxofre, especialmente nitrogénio ou oxigé-

"nio, na cadeia principal; exemplos de tais polimeros sdo indicados na lista

acima, inter alia, sob 13.-20., com importancia particular sendo ocupada por

poliamidas, poliéster e policarbonato (17.-19.).
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Incorporag@o nos pré-polimeros ou polimeros orgénicos sintéti-
cos pode ser efetuada por adicdo do estabilizador da invengao e quaisquer
outros aditivos de acordo com os métodos que sao habituais na técnica. In-
corporagéo pode ocorrer judiciosamente antes ou durante a modelagao, por
exemplo, por misturacdo de componentes pulverulentos ou por adicdo do
estabilizador a massa fundida ou solucao do polimero, ou por aplicagdo dos
compostos dissolvidos ou dispersos ao polimero com ou sem evaporacéo
subsequente do solvente. Elastdmeros podem também ser estabilizados na
forma de latex. Uma outra possibilidade para a incorporagdo dos compostos
da invengdao em polimeros € adiciona-los antes ou durante a polimerizagao
dos mondmeros correspondentes, e/ou antes da reticulagio.

A adicao dos compostos ou das misturas da invengao aos plasti-
cos a serem estabilizados pode ocorrer na forma pré-formulada, por exem-
plo, em uma forma contendo de 2,5-98% em peso do estabilizador da inven-
¢cao além de pelo menos um outro componente, por exemplo, um emulsifica-
dor ou dispersante, ou na forma de uma mistura base contendo estes com-
postos, por exemplo, em uma concentracao de desde 2,5 a 25% em peso.

A incorporagédo pode judiciosamente ser efetuada de acordo com
0s seguintes métodos:

- como um emulsdo ou dispersao (por exemplo, latex ou polime-
ros de emulsao)

- como uma mistura seca durante a misturagdo dos componen-
tes adicionais ou misturas de polimeros

- por adigédo direta ao aparelho de processamento (por exemplo,
extrusora, misturador interno, etc.)

- como uma solugédo ou uma massa fundida.

As composicdes de polimero estabilizadas obtidas deste modo
podem ser convertidas pelos métodos habituais, tal como moldagem por in-
jecao, extrusdo, impressao a quente, fiagdo ("spining"), por exemplo, em ar-
tigos modelados, tais como fibras, peliculas, tiras, folhas, placas de sandui-
che, recipientes, tubos ou outros perfis, por exemplo.

A invencao, portanto, ulteriormente prové o uso da composicao
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de polimero da invencdo para a produgao de um artigo modelado.

O uso de sistemas de multiplas camadas é também de interes-
se. Neste caso, uma composicdo de polimero da invengao compreendendo
uma quantidade relativamente grande de estabilizador da férmula |, por
exemplo, de 1-15% em peso, € aplicada na pelicula fina (10-100 um) a um
artigo modelado produzido a partir de um polimero contendo pouco ou ne-
nhum estabilizador da invencéo. A aplicagao pode ser sincrdnica com a mo-
delacao do artigo base, por exemplo, por co-extrusdo. AlLternativamente, a
aplicagdo pode ocorrer no artigo base em sua forma ja modelada, por exem-
plo, por laminagcdo com um pelicula ou por revestimento com uma solugédo. A
camada externa ou as camadas externas do artigo acabado tém a funcéao de
um filtro de UV que protege o interior do artigo contra luz UV. A camada ex-
terna de preferéncia contém de 1-15% em peso, em particular de 5-10% em
peso, de pelo menos um estabilizador da férmula .

A presente invencgao, portanto, ulteriormente prové o uso da
composicao de polimero da invengao para a producao de sistemas de multi-
plas camadas onde a(s) camada(s) externa(s) em uma espessura de 10-100
um compreende(m) uma composicao de polimero da invengdo enquanto que
a camada interna contém pouco ou nenhum estabilizador da férmula |.

Os polimeros assim estabilizados sdo notaveis para alta estabili-
dade de intemperizacao, e em particular por alta resisténcia a luz UV. Como
um resultado, eles retém suas propriedades mecanicas e também sua cor e
seu brilho por um periodo de tempo longo, mesmo quando usados em "ou-
tdoors".

De particular interesse prende-se ac uso das misturas da fér-
mula | da invengdo como estabilizadores para revestimentos, por exemplo,
para revestimentos de superficie. A invengdo, portanto, também prové
aquelas composi¢des cujo componente A € um aglutinante formador de peli-
cula.

A composicdo de revestimento da invengao de preferéncia con-
tém de 0,01-10 partes em peso, em particular de 0,05-10 partes em peso,

especialmente de 0,1-5 partes em peso do estabilizador B da invengao por
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100 partes em peso do aglutinante sdlido A.

Aqui novamente, sisternas de multiplas camadas séo possiveis,
caso esse em que a concentragdo do componente B na camada de topo
pode ser relativamente alta: por exemplo, de 1 a 15 partes em peso, especi-
almente de 3-10 partes em peso, de B por 100 partes em peso do agluti-
nante sélido A.

O uso do estabilizador da invengdo em revestimentos prové a
vantagem adicional que deslaminacao, isto é, a descamacéo do revesti-
mento do substrato, &€ evitada. Esta vantagem é manifestada em particular
no caso de substratos metalicos, incluindos sistemas de multiplas camadas
ou substratos metalicos.

Aglutinantes adequados (componente A) sdo em principio todos
aqueles comuns na técnica, exemplos sendo aqueles como descrito em Ull-
mann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5a ed., vol. A 18, pags. 368-
428, VCH, Weinheim 1991. Em geral, o aglutinante em questao é um agluti-
nante formador de pelicula com base em uma resina termoendurecivel ou
termopléastica, predominantemente sobre uma resina termoendurecivel.
Exemplos de tais sao resinas alquidicas, acrilicas, de poliéster, fendlicas, de
melamina, de epdxi e de poliuretano e suas misturas.

O componente A pode ser um aglutinante curavel a frio ou a
quente; a adicdo de um catalisador de cura pode ser vantajosa. Catalisado-
res adequados que aceleram a cura do aglutinante sdo descritos, por exem-
plo, em Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, vol. A18, pag. 469,
VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1991.

Preferéncia é dada a composi¢oes de revestimento em que 0
componente A é um aglutinante compreendendo uma resina acrilica funcio-
nal e um reticulador.

Exemplos de composicdes de revestimento cm aglutinantes es-
pecificos sao:

1. Materiais de revestimento com base em resinas alquidicas,
acrilicas, de poliéster, de epdxi ou de melamina reticulaveis a frio ou a

gquente ou misturas de tais resinsa, com ou sem adicdo de um catalisador de
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cura;

2. Materiais de revestimento de poliuretano de dois componen-
tes com base em resinas acrilicas contendo hidroxila, de poliéster ou de po-
liéter e em isocianatos, isocianurtatos ou poliisocinatos aromaticos ou alifati-
COos;

3. Materiais de revestimento de poliuretano de um componente
com base em poliisocianatos, isocianuratos ou isocianatos por blocos que
sao desbloqueados durante o cozimento; se desejado, a adigcao de resinas
de melamina é também possivel;

4. Materiais de revestimento de poliuretano de um componente
com base em uretanos ou poliuretanos alifaticos ou aromaticos e em resinas
de poliéter, poliéster ou acrilica contendo hidroxila;

5. Materiais de revestimento de poliuretano de um compcnente
com base em acrilatos de poliuretano ou acrilatos de uretano alifaticos ou
aromaticos tendo grupos amina livres na estrutura de uretano e em resinas
de melamina ou resinas de poliéter, com ou sem adicdo de um catalisador
de cura;

6. Materiais de revestimento de dois componentes com base em
(poli)cetiminas e em poliisocianatos, isocianuratos ou isocianatos alifaticos
ou aromaticos;

7. Materiais de revestimento de dois componentes com base em
(poli)cetiminas e em uma resina acrilica insaturada ou uma resina de polia-
cetoacetato ou um éster de metila de metacrilamidoglicolato;

8. Materiais de revestimento de dois componentes com base em
poliepéxidos ou poliacrilatos contendo carboxila ou amino;

9. Materiais de revestimento de dois componentes com base em
resinas acrilicas contendo grupos anidridos e em um componente de polii-
dréxi ou de poliamina;

10. Materiais de revestimento de dois componentes com base
emn anidridos contendo acrilatos e em poliepdxidos;

11. Materiais de revestimento de dois componentes com base

em poli(oxazolinas) e resinas acrilicas contendo grupos anidrido, ou resinas
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acrilicas insaturadas, ou poliisocianatos, isocianuratos ou isocianatos alifati-
cos ou aromaticos;

12. Materiais de revestimento de dois componentes com base
em polimalonatos ou poliacrilatos insaturados.

13. Materiais de revestimento de poliacrilato termopléasticos com
base em resinas acrilicas termoplasticas ou resinas acrilicas de reticulagao
externa em combinagao com resinas de melamina eterificadas;

14. Sistemas de revestimento com base em resinas acrilicas
modificadas por siloxano ou modificadas por fltor.

Além dos componentes A e B, a composi¢a@o de revestimento da
invencao de preferéncia compreende como o componente C um estabiliza-
dor de luz do tipo amina estericamente impedidas, 2-(2-hidroxifenil)-1,3,5-
triazina e/ou 2-hidroxifenil-2H-benzotriazol, como indicado, por exemplo, na
lista acima sob secdes 2.1, 2.6 e 2.8 Neste contexto, had interesse técnico
particular da adicdo de 2-mono-resorcinol-4,6-diaril-1,3,5-triazinas e/ou 2-
hidroxifenil-2H-benzotriazéis.

A fim de se conseguir maxima estabilidade de luz, ha interesse
particular na adigdo de aminas estericamente impedidas, como indicada na
lista acima sob 2.6. A invencéo, portanto, adicionalmente prové uma compo-
sicao de revestimento que além dos componentes A e B compreende como
componente C um estabilizador de luz do tipo amina estericamente impedi-
da.

O estabilizador em questdo é de preferéncia um derivado de

2,2,6,6-tetraalquilpiperidina contendo pelo menos um grupo da férmula
RCH,. CH,
—N
RCH,;” CH,
em que R é hidrogénio ou metila, especialmente hidrogénio.
O componente C é usado de preferéncia em uma quantidade de

0,05-5 partes em peso por 100 partes em peso do aglutinante sdlido.

Exemplos de derivados de tetraalquilpiperidina que podem ser
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usados como o componente C pode ser tirado da EP-A 356677, pags. 3-17,
secOes a) a f). As se¢des expressas desta EP-A sdo consideradas parie da
presente descrigdo. E particularmente judicioso usar os seguintes derivados
de tetraalquilpiperidina:
Bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) succinato,
Bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) sebacato,
Bis(1,2,2,8,6-pentametilpiperidin-4-il) sebacato,
Di(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)  butil(3,5-di-terc.-butil-4-hi-
droxibenzil)malonato,
Bis(1-octiloxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) sebacato,
Tetra(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) butano-1,2,3,4-tetracarboxi-

lato,

Tetra(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il) butano-1,2,3,4-tetracar-
boxilato,

2,2,4.4-Tetrametil-7-oxa-3,20-diaza-21-oxodispiro(5.1.11.2]he-
neicosano,

8-Acetil-3-dodecil-1,3,8-triaza-7,7,9,9-tetrametilspiro[4,5] decano-
2,4-diona,

1,1-Bis(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il-oxicarbonil)-2-(4-
metoxifenil)eteno,
ou um composto das férmulas
| P A
R—NH—(CH,)5—N—{CH,);—N—(CH,);—NH-R

b ck

onde R= —CH, ;

N

Hac ! CHS
H .

CH, R R CH

. 3

| !
R——N—(CH,)5—N—(CH,);—N—(CH,);—N—R



C,H, =CH3
_l// } N "CHa
N

oy
Y
onde R= N=CH, ;
T
He N CH,
CH,
H c. CH;
{C —CHz CH2C O—CH;CH; ND‘O‘]‘
m
H,C” “CH,
CH, CH,

- N
e e N——(cnye 1

N
H,C CH, Hacrj( CH,

HC™ "N” “CH, pe CH,

N
I ]
_-[—lﬁ_N LY (CH,) N -
H,C CH, HC CH,
HC™ N° "CH; HC '}l CH,
H H
X
N7 IN
.
-[—-K\N/J—N (CH)——N 1

I-—-=
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ou

[ N (CH,)g N—CH.‘,—CHQ—E|~ :
m

HyC CH, H.C CH,
H,C CH; H,C CH,

Iz
-z

em que m é 5-50

Além dos componentes A, B e, se presente, C, a composicédo de
revestimento pode compreender outros componentes, exemplos sendo sol-
ventes, pigmentos, corantes, plastificantes, estabilizadores, agentes tixotro-
picos, catalisadores de secagem, e/ou auxiliares de nivelamento.

Exemplos de componentes possiveis sao aqueles descritos em
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5a ed. vol. A18, pags. 429-
471, VCH, Weinheim 1991.

Catalisadores de cura e catalisadores de secagem possiveis
sédo, por exemplo, compostos organometalicos, aminas, resinas contendo
amino e/ou fosfinas. Exemplos de compostos organometdlicos sdo carboxi-
latos de metal, especialmente aqueles dos metais Pb, Mn, Co, Zn, Zr o Cu,
ou quelatos de metal, especialmente aqueles metais Al, Ti ou Zr, ou com-
postos organometalicos tais como compostos de organoestanho, por exem-
plo.

Exemplos de carboxilatos de metal s&o os estearatos de Pb, Mn
ou Zn, os octoatos de Co, Zn ou Cu, os naftenatos de Mn e Co, ou os linole-
atos correspondentes, resinatos ou talatos.

Exemplos de quelatos de metal sdo os quelatos de aluminio, de
titanio ou de zircdnio de acetilacetona, acetilacetato de etila, salicilaldeido,
salicilaldoxima, o-hidroxiacetofenona ou trifluoroacetilacetato de etila, e os
alcoxidos destes metais.

Exemplos de compostos de organoestanho sdo 6xido de dibuti-

" lestanho, dilaurato de dibutilestanho e dioctato de dibutilestanho.

Exemplos de aminas sdo especialmente aminas terciarias, tais

como tributilamina, trietanolamina, N-metildietanolamina, N-dimetiletanola-
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mina, N-etil-morfolina, N-metilmorfolina ou diazabiciclooctano (trietilenodia-
mina), e seus sais. Outros exemplos sd@o sais de amdnio quaternario, tal
como cloreto de trimetilbenzilaménio, por exemplo.

Resinas contendo grupos aminos sao simultaneamente agluti-
nantes e catalisadores de cura. Seus exemplos sdo copolimeros de acilato
contendo amino.

Como catalisadores de cura & também possivel usar fosfinas, tal
como trifenilfosfina.

As composi¢des de revesttimento da invencao podem tambeém
compreender composi¢cdes de revestimento curavel por radiacdo. Neste
caso, o aglutinante essencialmente compreende compostos monoméricos ou
oligoméricos tendo liga¢gdes etilenicamente insaturadas (pré-polimeros) que
apods a aplicagao sao curados - isto €, sdo convertidos em forma de alta
massa molecular, reticulada - por meio de radiagao actinica. Onde o sistema
em questao € um sistema de cura por UV, ele em geral compreende um fo-
toiniciador. Sistemas correspondentes sdo descritos na publicagdo acima
mencionada, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5a ed., vol.
A18, pags. 451-453. Em composigdes de revestimento curaveis por radia-
cao, os estabilizadores da invengdo podem ser usados mesmo sem a adi¢éo
de aminas estericamente impedidas. '

As composigbes de revestimento da invencédo podem ser aplica-
das a quaisquer substratos desejados, exemplos sendo materiais de cerami-
ca, plastico, madeira ou metal. No caso de sistemas de revestimento auto-
motivo, eles sdo de preferéncia como material de revestimento de base.
Onde o revestimento de topo compreende duas camadas das quais a cama-
da de fundo é pigmentada e a camada de topo ndo é pigmentada, a compo-
sicdo de revestimento da invengdo pode ser usada para a camada de topo
ou de fundo ou para ambas as camadas, mas de preferéncia para a camada
de fundo (pigmentada).

Do mesmo modo preferido € o uso dos compostos da invencao
em preservacio de madeira, por exemplo, por incorporagao do estabilizador

da férmula | em um verniz, corante ou impregnante para a madeira. A pre-
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sente invengdo, portanto, ulteriormente prové um método de estabilizagdo de
uma superficie de madeira contra o dano dos efeitos intemperizacdo, espe-
cialmente de luz, oxigénio e/ou calor, que compreende o tratamento da ma-
deira com um estabilizador da férmula |, em particular por aplicagdo de um
verniz, corante e/ou impregnante compreendendo um estabilizador da fér-
mula I. Com o auxilio do método da invencgao € possivel conserguir redugdes
marcadas em descoloragoes indesejaveis tal como amarelamento ou alve-
jamento da madeira. Misturas de compostos da férmula | sao de preferéncia
usadas como parte de um impregnante, um corante, ou um revestimento de
topo.

No caso de aplicacdo a madeira, € também possivel usar um
composto da férmula [ em que Ro tem uma das definicbes dadas para Ry,
um exemplo sendo o composto 1 (2,4,6-tris(2-hidréxi-4-[1-etoxiloxicarbonil-1-
metiletoxilfenil)-1,3,5-triazina). Compostos preferidos nestas composigdes
sao como indicados anteriormente acima.

Freqientemente, aminas impedidas sao usadas ao mesmo tem-
po, exemplos sendo aqueles como descritos anteriormente acima, especial-
mente em quantidades de 0,1-10%, por exemplo, 0,2-5%, em particular 0,2-
2% com base no peso total de aglutinante e solvente. Preferéncia particular
para aplicagbes de madeira é dada a aminas impedidas do tipo hidroxilamina
{(como descritas na EP-A 309401, por exemplo) ou N-éxidos corresponden-
tes, e também sais destes compostos.

Onde a aplicagao € feita na forma de um corante ou impregnan-
te, & preferido usar o solvente selecionado, por exemplo, de hidrocarbonetos
alifaticos, cicloalifaticos e/ou aromaticos, alcoois, éteres, ésteres, cetonas,
glicéis, éteres de glicol, ésteres de glicol, poliglicéis ou suas misturas. Neste
caso o aglutinante é de preferéncia uma resina alquidica, resina alquidica
modificada, resina acrilica auto-reticulante ou ndo auto-reticulante, uma resi-
na de poliéster, um d6leoc de secagem oxidativa, uma resina fendlica, nitroce-
lulose ou uma mistura correspondente.

Aditivos habituais tais como fungicidas ou inseticidas s&o possi-

veis, por exemplo, éxido de tributilestanho, sais de fenilmercurio, naftenato
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de cobre, 1-cloronaftaleno, pentaclorofenil, dieldrina, lindano, azaconazol,
cipermetrina, cloridrato de benzalcdnio, propiconazol o paration.

Revestimentos de topo sobre madeira normalmente compreende
um aglutinante, dissolvido ou disperso em um solvente orgénico ou agua ou
mistura de um solvente orgénico e agua. O aglutinante & tipicamente uma
resina que € seca ao ar ou cura a temperatura ambiente (isto &, na faixa de
cerca de 10-30°C). Exemplos de tais aglutinantes sao nitrocelulose, acetato
de polivinila, cloreto de polivinila, resinas de poliéster insaturadas, poliacri-
latos, poliuretanos, resinas de epdxi, resinas fendlicas, e especialmente resi-
nas alquidicas. Também possivel sao misturas correspondentes e também
sistemas livres de solvente e/ou curaveis por radiacao; exemplos ilustrativos
sao misturas de acrilatos ou metacrilatos, misturas de estireno/poliéster in-
saturadas, ou misturas de outros cligdmeros ou mondmeros etilenicamente
insaturados.

Exemplos de superficies de madeira tratadas de acordo com a
invengdo sao aquelas de mobilia, soalho de bloco de madeira e folheado de
madeira, juntamente com aplicacbes externas tais como cercas, elementos
estruturais, coberturas de madeira, molduras de janela ou molduras de porta,
etc.

As composigdes de revestimento da invencao podem ser aplica-
das aos substratos pelos métodos habituais, por exemplo, por brochamento,
borrifamento, revestimento por fluxo, mergulho ou eletroforese; ver tambem
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5a ed., vol. A18, pags. 491-
500.

Dependendo do sistema, os revestimentos podem ser curados a
temperatura ambiente ou por aquecimento. De preferéncia, os revestimentos
s8o curados a 50-150°C, revestimento em pé ou revestimentos em espiral
("coil coatings") também em temperatura mais altas.

Os revestimentos obtidos de acordo com a invencdo tém uma

" resisténcia exepecionalmente boa a influéncias nocivas de luz, oxigénio e

calor; referéncia deve ser feita em particular &2 boa estabilidade de luz e es-

tabilidade a intemperizacdo dos revestimentos assim obtidos, por exemplo,
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revestimentos de superficie.

A invencdo, portanto, também prové um revestimento, especial-
mente um revestimento de superficie, que é estabilizado contra influéncias
hocivas de luz, oxigénio e calor como um resultado da adicao de um com-
posto da férmula I. O revestimento de superficie € de preferéncia um reves-
timento de base para automdveis ou um revestimento de madeira. A inven-
¢ao ulteriormente inclui um método de estabilizacao de um revestimento com
base em polimeros orgéanicos contra dano por luz, oxigénio e/ou calor, que
compreende a misturagcdo com a composigdo de revestimento de um com-
posto da férmula |, € também prové para o uso de compostos da férmula |
em composicoes de revestimento como estabilizadores contra dano por luz,
oxigénio e/ou calor.

As composigoes de revestimento podem compreender um sol-
vente orgénico ou mistura de solventes em que o aglutinante € soluvel. Al-
ternativamente, a composicao de revestimento pode ser uma dispersao ou
solugdo aquosa. O veiculo pode também ser uma mistura de um solvente
organico e agua. A composigao de revestimento pode também ser um mate-
rial de revestimento de alto teor de sélidos ou pode estar livre de solvente
(por exemplo, revestimento em pd). Revestimentos em po sao aqueles, por
exemplo, como descritos em Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry,
5a ed., A18, pags. 438-444. O revestimento em pd pode tambem estar pre-
sente na forma de uma pasta fluida em pé, isto €, uma disperséo do pd, de
preferéncia em agua.

Os pigmentos podem ser pigmentos orgénicos, inorganicos ou
metélicos. De preferéncia, as composicdes de revestimento da invengéao nao
contém nenhum pigmento e sdo usadas como revestimento claro.

Preferéncia € do mesmo modo dado ao uso da composigdo de
revestimento como um revestimento de base para as aplicagées na industria
automotiva, especialmente como o revestimento de topo pigmentado do re-
vestimento. O uso para revestimentos que ficam acima deste, no entanto, é
também possivel.

Os seguintes exemplos provéem uma outra descricdo da inven-
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¢éo sem representar qualquer restricdo. Partes e percentagens ali sdo em
peso; se um exemplo menciona temperatura ambiente, significa um tempe-
ratura na faixa de 20-25°C. No caso de misturas de solventes, tal como para
cromatografia, partes por volume sao mencionadas. Estas provisdes se apli-
cam a nao ser que diferentes detalhes sejam dados.

Abreviacdes:

THF tetraidrofurano

abs. anidro

p-f. ponto de fuséo ou faixa de fuséo

RMN ressonéancia magnética nuclear

torr = mmHG (1 torr corresponde a cerca de 133 Pa)
Tq temperatura de transigao vitrea

h horas

Exemplo 1: Mistura de absorvedor de UV compreendendo 2-(2,4-diidroxi-
fenil)-4,6-bis(2-hidréxi-4-(1-metoxicarbonilpentdxi)fenil)-1,3,5-triazina, 2,4,6-
tris(2-hidréxi-4-(1-metoxicarbonil-pentdxi)fenil)-1,3,5-triazina e 2-(2,4-di(me-
toxicarbonilpentdxi)fenil)-4,6-bis(2-hidréxi-4-(1-metoxicarbonilpentdxi)fenil)-
1,3,5-triazina.

12,15 g de tris(2,4-diidroxifenil)-1,3,5-triazina, 10,5 g de carbo-
nato de potassio, 20 ml de dimetilformamida e 20,15 g (96,4 mmoles) de
bromocaproato de metila sdo aquecidos a 90°C por 5 h com agitacdo. A
mistura de reacao é subseqlentemente misturada com agua e & submetida
a extracdo com heptano e os extratos sdo concentrados para dar 23,78 g de
resina de cor laranja brilhante compreendendo os seguintes componentes:

. (]

)/\[)Lo’ /(\(“‘o’ ' f\l)\o’
g 2 b0
?‘OH @\OH | @‘3
OH NN OH

OH N N OH OH NN OH 1
N N -0 Jﬁ
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’ [o 2 a ]
o] ‘ 1

Resultados similares sdo obtidos se a extracéo for realizada
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usando-se, ao invés de heptano, um dos solventes benzeno, tolueno, xileno,

acetato de butila, acetato de etila, efil metil cetona, metil iscbutil cetona ou

suas misturas ou misturas com heptano.

Exemplo 2: Operando-se como no exemplo 1 mas partindo de tris(2,4-
5 diidroxifenil})-1,3,5-triazina e bromoacetato de etila d4 uma mistura compre-

endendo:
(o] [0}
HLO’\ H‘o’\ : ’ ("Lo’\
o o
. .o:-ro
, @\OH EELOH ' (ELO
OH NTSN OH OH N“SN OH OHINE"N OH
N caacl"Neans Y oo ol
H 0 OH i_,o o A0 o
° olo o
A A

Exemplo 3: Operando-se como no exemplo 1 mas partindo de tris(2,4-
diidroxifenil)-1,3,5-triazina e etil 2-bromooctanocato de etila da uma mistura

compreendendo:

10 Exemplo 4: Operando-se como no exemplo 1 mas partindo de tris(2,4-
diidroxifenil)-1,3,5-triazina e 2-bromopropionate de metila da uma mistura

compreendendo:

o] (o]

7 7

o
| B
OH - OH ©
OH N"N OH : OH N"SN OH QH MU oR

2 SRS, 5 S, 5 S
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Exemplo 4a: Operando-se como no exemplo 1 mas partindo de tris(2,4-
diidroxifenil)-1,3,5-triazina e a quantidade equivalente do éster de uma mistu-
ra de isdbmero de octanol de alcoois C;, Cg e Cy de cadeia reta e ramificada e
acido bromopropidnico d4 uma mistura compreendendo os componentes

das seguintes férmulas:

o
\]io‘icus \H?*o’icﬁ" - \)‘?'C'H"
[ (o]

o Gy
: ; : ;Ojic

o
OH N o4 N OH

OH 7 OH
(SN oH OH N7°N OH N
- . ’ . . N .
oy JTQ, oy JTTQ, ey SO
o) OH (o} O (o} o]
o}T OJT OIO 0 Q:L/O
I'lf.':,l-l,,, . ) CyHyy
(A) (B) - (C)
iCgHq7: mistura de isomémero de C;-Cy alquila, Rendimento: 95%.
Exemplo 4b: 10 g de tris(2,4-diidroxifenil}-1,3,5-triazina, 8,89 g de carbonato
de Na, 20 ml de dimetilformamida e 17,97 g de ésteres de alfa-

cloropropidnico (mistura de isdbmero de alcoois de C;-Cg¢ em analogia ao
exemplo 4a) e 40 ml de tolueno s&o aquecidos a 90°C por 18 h com agita-

- ¢ao. Depois do resfriamento, agua € adicionada e a mistur € submetida a

extragdo com acetato de etila. A fase orgénica é lavada numerosas vezes
com agua e é seca. Remocédo do solvente da a mistura de produto em 77%
de rendimento com os componentes principais expressos no exemplo 4a,
contendo 31% do produto bisalquilado (A), 16% do produto trialquilado (B) e
2% do produto tetraalquilado (C) (HPLC, 'H-RMN) bem como produto mo-
noalquilado e material de partida.

Exemplo 4¢: 10 g de tris(2,4-diidroxifenil)-1,3,5-triazina, 8,89 g de carbonato
de Na, 20 ml de dimetilformamida e 17,97 g de ésteres alfa-cloropropiénicos
como no exemplo 4b sdo aquecidos a 100°C por 20 h. Depois do resfria-
mento, agua e adicionada e a mistura é submetida a extragdo com acetato
de etila. A fase organica é lavada numerosas vezes com agua e € seca.
Remocédo do solvente da a mistura de produto como no exemplo 4a como
uma resina de cor laranja em 96% de rendimento contendo 10% de (A), 36%



10

15

20

25

30

49

de (B) e 42% de (C) (HPLC, "H-RMN) bem como produtos monoaiquilados e
material de partida.
Exemplo 4d: 10 g de tris(2,4-diidroxifenil)-1,3,5-triazina contendo 3 equiva-
lentes de dimetilacetamida, 5,40 g de carbonato de Na, 13 ml de dimetilfor-
mamida e 13,26 g de ésteres alfa-bromopropidnicos (mistura de isdmero de
alcoois C7-Cy como no exemplo 4a) e 13 ml de heptano sdo aquecidos a
90°C por 7 h com agitagéo. Depois do resfriamento, agua & adicionada e a
mistura € submetida a extragao com heptano e acetato de etila. A fase orga-
nica & lavada numerosas vezes com agua salgada e agua e entdo & seca.
Remog¢ao do solvente da a mistura de produto como no exemplo 4a, quanti-
tativamente, como uma resina de cor laranja contendo 30% de (A), 41% de
(B) e 15% de (C) (HPLC, "H-RMN) bem como produto monoalquilado e ma-
terial de partida.
Exemplo 4e: 10 g de tris(2,4-diidroxifenil)-1,3,5-triazina contendo 3 equiva-
lentes de dimetilacetamida, 5,40 g de carbonato de Na, 13 ml de dimetilfor-
mamida e 13,26 g de ésteres alfa-bromopropiénicos (mistura de isdbmero de
alcoois de C;-Cg9 como no exemplo 4a) e 13 ml de tolueno sdo aquecidos a
90°C por 7 h com agita¢do. Depois do resfriamento, dgua € adicionada e a
mistura & submetida a extiragdo com tolueno. A fase organica é lavada nu-
merosas vezes com agua e entéo é seca. Remogéo do solvente da a mistura
de produto como no exemplo 4a como uma resina de cor laranja contendo
12% de (A), 58% de (B) e 28% de (C) (HPLC, "H-RMN) bem como produtos
monoalquilados e material de partida; rendimento 98%.
Exempio 4f

300 g de tris-(2,4-diidroxifenil)-1,3,5-triazina e 258,85 g de car-
bonato de sdédio sdo misturados juntamente com 776 ml de dimetilformamida
e entédo sao agitados e sdo aquecidos por 2,5 horas a 130°C. Entdo a mistu-
ra de reagéo é resfriada para 80°C e uma mistura de 539,1 g de mistura de
isdbmero de octiléster de acido alfa-cloropropidnico (preparada a partir de
acido 2-cloropropidnico e uma mistura de dlcoois C7, Cg e Cy retos ou ramifi-
cados) em 776 ml de etilmetilcetona sao adicionados gota a gota em 20 mi-

nutos.
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A mistura de reagdo é agitada de um dia para o outro a 80°C.
Entdo & resfriada para a temperatura ambiente e é filtrada. Ao filtrado s&o
adicionados 200 ml de tolueno e 2000 ml de 4gua. As fases sdo separadas e
a fase organica € lavada duas vezes com 1000 ml de agua. Entao a fase
organica é seca sobre MgSQs, é filtrada e os solventes sdo evaporados,
dando uma resina laranja com 80% de rendimento contendo 22,1% de pro-
duto bisalquilado, 34,1% de produto trisalquilado B e 11,9% de de produto
tetralquilado C determinada por HPLC e "H-RMN além do produto monoal-
quilado e material de partida.

- ' o

1 . Lo G ,-c.Hn
IJ\O,.:#,, _ \oHL‘3 o o o,
R
OH N7 N oH OH!~= N OH .
ey LT g OO, ey Q’* ﬁ
oJTo b OJ‘I’O Oro OJTO

I
Hey caHt?

s

A B : C

iCgH+7: mistura de isdmero de heptila, octila e nonil alquila reta e ramificada
Exemplo 5: Mistura de absorvedor de UV compreendendo 2-(2,4-diidroxi-
fenil)-4,6-bis-(2-hidréxi-4-(1-hidroxicarbonilpentdxi)fenil)-1,3,5-triazina, 2,4,6-
tris(2-hidroxi-4-(1-hidroxicarbonilpentéxi)fenil)-1,3,5-tfriazina e 2-(2,4-di(hi-
droxicarbonilpentéxi)fenil)-4,6-bis(2-hidréxi-4-(1-hidroxicarbonilpentdxi)fenil-
1,3,5-triazina

11,5 g da mistura dos compostos do exemplo 1 sao dissolvidos
em 10 ml de DMF a 100°C. A solugdo de 4,08 g de NaOH em 30 ml de agua
é adicionada e a mistura de reacdo & agitada de um dia para o outro a
100°C. A mistura de reacgdo & neutralizada e é filtrada. O residuc é lavado
com agua e é seco. Isto da 12,32 g de mistura em pé amarela compreen-

dendo os seguintes componentes:
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o ‘ e
oH , )/\HLDH )/\HLO
0
; HOZO/(
CH N"SN  oOH

LSRG, SRS SRS

Exemplo 6: Operando-se como no exemplo 5 mas partindo do produto do

exemplo 2 da uma mistura compreendendo:
o L 0 _
HLOH (\LOH : OHKCH

Te]
;0 HOTO
OH . o}
OH NN OH OHN"‘N OH ' OHNI'NoH
OH OH
40 OH [o}
o

Exemplo 7: Operando-se como no exemplo 5 mas partindo do produto do

exemplo 3 da uma mistura compreendendo:
(o]

o o - _
oH oH OH
o o °
CH NN ©H 5 DH N "‘N OH

ED*’“CL O**@

Exemplo 8: Operando-se como no exemplo 5 mas partindo do produto do

exemplo 4 da uma mistura compreendendo:
' o]
=] [a]
\KILOH . \HLOH j.)LOH
? g ) HOIO
NN OH NN OH HAY
ioa *@ fean s TN e ng e
OH .
o} a o ©
o T Y o )g
HO™ "0

HO™ "0

Exemplo 9: Mistura de absorvedor de UV compreendendo 2-(2,4-diidroxi-

fenil)-4,6-bis-(2-hidréxi-4-(1-potassio-oxicarboniletéxi)fenil)-1,3,5-triazina,
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2,4,6-tris(2-hidroxi-4-(1-potassio-oxicarboniletoxi)fenil)-1,3,5-triazina e 2-(2,4-
di(potéssio-oxicarboniletdxi)-fenil)-4,6-bis(2-hidroxi-4-(1-potassio-
oxicarboniletdxi)fenil)-1,3,5-triazina
5 g da mistura dos compostos do exemplo 8 sdo adicionados a
5 uma solugéo de 1,45 g de KOH em 30 ml de agua e a mistura é agitada a
temperatura ambiente por uma hora. Ela é filtrada para dar uma solugao de

cor laranja aquosa clara que compreende os seguintes componentes:
o ‘ 0 Q
\)‘o* K’ \[)Lo- K K
o] o ’ o
. O-IO K
Q
OH N \N OH N“SN  OH
K -
o
o (o)
: X

K,oo K o 0

Exemplo 10: Operando-se como no exemplo 9 mas partindo do produto do

exemplo 6 e com NaOH como base da uma mistura compreendendo:
[}

o ‘ o
H"o‘ na” |)Lo‘ Na” |)L

o] Q
0 Na' -
OH
N“N

OH NN OH

. OH N"SN  oH
- L,(jl “’)\@m JVOQA )\CL 3\/0 Ol

Q Na" o o}

10 Exemplo 11: Tratamento de supeificie de madeira
a) Impregnacao: 0,5%, em relagio ao peso da formulagéo total
do estabilizador do exemplo 4f & adicionado a um impregnante comercial-
mente disponivel (Xylamon Incolore®; fabricante: Sepam).

-

O impregnante é aplicado por brocha as chapas de abeto ver-
15 melho (1 aplicacéo) e é seco a temperatura ambiente por 24 horas.
b) Revestimento de topo: um revestimento de topo é preparado
a partir de: -
53,48 partes em peso de resina alquidica (Jagalyd Antihydro®,

E. Jager KG, 60% de solugdo em "white spirit");
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10,69 partes em peso de um auxiliar tixotrépico (Jagalyd An-
tihydro-Thix, E. Jager KG, 50% de solugéo);

1,92 parte em peso do acelerador (Jager Antihydro-Trockner®);

33,44 partes em peso de solvente (Terlitol® 30);

0,32 parte em peso de agente antidescascamento (Ascinin® P,
BAYER);

0,15 parte em peso de agente antidescascamento (Luactin® M,
BASF).

O revestimento de topo é estabilizado pela adicao de 1,0% de

estabilizador do exemplo 4f e 1,0% do composto da férmula T1

CH H.G
H,C 3 o o 3 CH,
| i
H,7Cg-O—N O—C-(CH,)C—0 N—0O-C4H,, (T1)
H.C CH, |
3 Hy : H,C

(estabilizador de luz do tipo amina impedida, Ciba Specialty Chemicals),
quantidade em cada caso com base no teor de sdlidos do aglutinante. Uma
amostra comparativa € preprada sem adigdo dos estabilizadores menciona-
dos acima.

O revestimento de topo é aplicado por brocha (3 aplicacées) as
chapas de abeto vermelho impregnadas com secagem a temperatura ambi-
ente por 24 horas depois de cada aplicagéo.

Subseqiientemente, as amostras sdo submetidas a intemperiza-
¢ao acelerada: lampadas de UV-A com intensidade méaxima de luz a 340 nm;
ciclo de intemperizagao: 5 h de luz a 58°C, 1 h de borrifamento a 22°C.

Depois do periodo expresso de intemperizacédo, mudancga de cor
AE é determinada de acordo com DIN 6174; a comparagdo usada é uma
amostra intemperizada com impregnante instabilizado e revestimento de topo
instabilizado. Os resultados mostram excelente estabilizagdo das amostras
estabilizadas com a mistura de compostos de acordo com o exemplo 4f.
Exemplo_11a: Um revestimento de topo como descrito no exemplo 11 e apli-

cado as chapas de abeto vermelho pré-tratadas, ou nao usando-se nenhum
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estabilizador de luz do tipo amina impedida ou usando-se o composto da
formula T1. A comparacao usada é um revestimento de topo instabilizado.
As tabelas abaixo mostram os resultados (AE de acordo com DIN 6174) de-
pois do periodo expresso de intemperizacao. Quantidades expressas de
estabilizador referem-se em cada caso ao peso do revestimento sdlido.
Amostra a: intemperizacéo acelerada como no exemplo 11, mas exposigéo a
luz permanente sem borrifamento

Tab. A: Mudanca de cor AE depois de 1000 h de exposicdo

Aditivo AE
nenhum 29
2% comp. do Exemplo 4f 11

Amostra b: intemperizacao acelerada como no exemplo 11.

Tab. B: Mudanca de cor AE depois de 1200 h de intemperizagcdo acelerada

Aditivo AE
nenhum 31
1% comp. do Exemplo 4f + 1% T1 23

Os resuitados mostram excelente estabilizacao das amostras
estabilizadas com a mistura da invenc¢ao.
Exemplo 12: Estabilizagio de um acabamento metalico de 2 revestimentos
O estabilizador da invengao a ser testado é incorporado em 30 g
de Solvesso®100% e é testado em um revestimento claro da seguinte com-

posicao (partes em peso):

Synthacryl® SC 303" 27,51
Synthacryl® SC 3707 23,34
Maprenal® 650% 27,29
Acetato de butila/butanol (37/8) 4,33
Isobutanol 4,87
Solvesso® 150% 2,72
Kristalldl K-30% 8,74
Auxiliar de nivelamento Baysilon® MA® 1,2

100,0
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1)  resina acrilica, Hoechst AG; 65% de solugdo em xileno/butanol (26/9)

2) resina acrilica, Hoechst AG; 75% de solucdo em Solvesso® 100%

3) resina de melamina, Hoechst AG; 55% de solugio em isobutanol

4) mistura de hidrocarbonetos aromaticos (fabricante: Esso); faixa de
ebulicdo 182-203°C (Solvesso® 150) ou 161-178°C (Solvesso® 100)

5) mistura de hidrocarbonetos alifaticos (fabricante: Shell); faixa de ebuli-
cdo: 145-200°C '

6) 1% em Solvesso® 150% (fabricante: Bayer AG)

1,56% em peso da mistura dos compostos do exemplo 1 ou do
exemplo 3 ou do exemplo 4a em cada caso sdo adicionados ao revestimento

claro; em algumas amostras, um adicional de 0,7% do composto

HC CH, 5 5 H,C CH,
. - ’
H,C—N 0—C~(CH,);C—0 N—CH,
H.C . CH
7 CHy - H,C ’

(composto A) é incorporado (quantidades em cada caso com base no teor
de sdlidos do revestimento). A comparacdo usada & um revestimento claro
ndo contendo nenhum estabilizador de luz.

O revestimento claro € diluido com Solvesso® 100 para a visco-
sidade de spray e é borrifado sobre um painel de aluminio preparado (reves-
timento metdlico de prata, epdxi Uniprime®) que é cozido a 130°C por 30
minutos. O resultado € uma pelicula seca de revestimento claro de espessu-
ra de 40-50 pm.

As amostras sdo entdo intemperizadas em um aparelho de in-
temperizagcdo UVCON® da Atlas Corp. (lampadas UVB-313) com um ciclo
de 4 h de exposicdo a UV a 70°C e 4 h de condensacgéo a 50°C.

As amostras sao examinadas em intervalos regulares quanto ao
brilho (20° de brilho de acordo com DIN 67530) e auséncia de fendas. As
amostras estabilizadas de acordo com com a invengao exibem uma estabili-
dade de intemperizagdo marcadamente melhor (retencdo de brilho, resistén-

cia a fenda) do que a amostra de comparagao instabilizada.
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Exemplo 13: Solubilidade em adesivos

Para medir a solubilidade, o composto sob teste & adicionado a
um adesivo tipico GELVA® 263 (Solutia: uma solucdo de concentracdo de
44,5% de um poliacrilato em uma mistura de acetato de etila e hexano, o
poliacrilato sendo um copolimero de metacrilato de metila, metacrilato de 2-
etilexila e metacrilato de glicidila).

O composto de teste é dissolvido em 5 ml de acetato de etila,
tolueno ou uma mistura de acetato de etila e tolueno, 5 g de GELVA® 263
sdo misturados & solucao, e 2-3 ml da solugao resultante sao introduzidos
em placas de vidro individuais. A solubilidade € subsequentemente determi-
nada a partir da cristalizagdo observada apds a evaporacao do solvente no
periodo de umas poucas horas a varias semanas.

Os dados de solubilidade relatados na tabela abaixo sao as ma-
ximas concentracdes observadas em que ndo ha ainda nenhum sinal de ini-
cio de cristalizacao, relatados como o peso total dos compostos de triazina
misturados a GELVA® 263.

Composto Solubilidade(%)
Exemplo 4a 22,6
Comparacao 8,0

*: A comparacdo usada era o Unico composto 2,4,6-tris(2-hidroxi-4-
isooctiloxicarbonilisopropilidenooxifenil)-s-triazina (composto n® 4 da GB-A
2337049).

Os dados mostram uma solubilidade marcadamente melhor em
adesivos para a mistura dos compostos da invengdo do que para um com-
posto individual de estrutura similar.

Exemplo 14: Peliculas solares

Uma pelicula de poliuretano é produzida como se segue: 26,2 g
de acetato de butila, 5,8 g de acetato de etila e 0,4 g de 50% de FC 430 s&o
misturados com 595 g de poliol acrilico RK4037 em 75% de teor de sdlidos
em metil amil cetona (DuPont: PM 7000-9000; numero de OH 145). 0,75 g
do composto T1 do exemplo 11 (1% com base no teor de sélidos) & adicio-
nado. 0,9 g de Desmodur® N-3390 (poliisocianato alifatico, 90% de teor de
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sblidos, Bayer) é adicionado a 2,43 g desta mistura. O absorvedor de UV a
ser testado é incorporado no componente de poliol acrilico. A formulagéo é
aplicada por revestimento por giro a um disco de quartzo (1000 rpm, 2 se-
gundos). O revestimento (35,56 micra) (1,4 mil) é curado a 126°C (260°F)
por 30 minutos.

Espectros de UV sao resgistrados usando-se espectrofotdmetro
de UV A-9 da Perkin Elmer a cada 0,5 nm, a 120 nm/min com uma largura
de lacuna de 2 nm.

Perda de absorvedor de UV por intemperizacao é determinada
por medicdo da maxima absorgdo de onda longa a cada 200 h. Extingao na
maxima absorgio de onda longa antes do inicio da intemperizacdo é cerca
de 2,3. Intemperizacao ocorre de acordo com SAEJ 1960 (condi¢cdes de in-
temperizagdo automotiva externa): 0,55 W/m? a 340 nm usando-se um filtro
borossilicato interno e um filtro borossilicato externo; 40 minutos de exposi-
cao seca, 20 minutos de exposicao Uumida (frente), entao 60 minutos de ex-
posi¢cdo seguida por 60 minutos sem exposicdo, em cada caso com conden-
sacdo (costas); temperatura de painel preto 70°C; umidade atmosférica rela-
tiva 50-55% durante a exposicdo e 100% durante a escuriddo. Os resultados
sao0 sumarizados na tabela abaixo; quantidades com base no peso da for-
mulacéao total.

Tabela: Extingdo da pelicula de poliuretano antes e depois de intemperiza-
cao por2012 h
Extingdo antes da  Extincéo depois
Absorvedor de UV intemperizacao da intemperizagao

1,6% do composto do exemplo 4a 2,33 1,83
O estabilizador da invencdo exibe boa persisténcia na pelicula
de poliuretano.
Exemplo 15: Aplicagao em camadas fotograficas
No alto de um suporte de poliéster, uma camada de gelatina da

seguinte composigéo (por m?) é aplicada do modo habitual:
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Componente: Quantidade:
Gelatina 1200 mg
Fosfato de tricresila 150 mg
Agente de cura 40 mg
Agente de umectagéo 100 mg
Composto do exemplo 4a 300 mg

O agente de cura usado € o sal de potassio de 2-hidréxi-4,6-
dicloro-1,3,5-triazina, o agente de umectacdo 4,8-diisobutilnaftaleno-2-sul-
fonato de sodio.

A camada de gelatina é seca a 20°C por 7 dias.

Isto da uma camada transparente clara tendo uma densidade
maxima dtica de 1,10 que é adequada para um material de registro fotografi-
co, como uma camada de filtro de UV, por exemplo. Camadas claras podem
ser obtidas uniformemente por reparticao igual da quantidade de fosfato de
tricresila ou por uso de ftalato de dibutila ac invés de fosfato de tricresila.
Exemplo 16: O procedimento descrito no exemplo 15 é repetido mas usan-
do-se uma mistura de 1 parte em peso do composto do exemplo 4a e 1 parte
em peso do composto B.

Composto B corresponde a férmula
0/\\/\

OM\

N

' OH N7 OH
o |
o) o
(composto n® 21 da GB-A 2319523).

Camadas transparentes claras sac obtidas que sao adequadas
para um material de registro fotografico, como uma camada de filtro de UV,
por exempio.

Exemplo 17: Camadas sédo preparadas como descrito no exemplo 15. As
amostras sdo expostas em uma aparelho de exposicdo Atlas a 120 kJ/cm® e
a diminuicdo em densidade na méaxima absorgéo de onda longa (Amax) € de-

terminada. Os resultados sao sumarizados na tabela abaixo.
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Amostra | UVAdain- | UVA compa-!| Razdode | Amax | Diminuicdo de
vencao rativo massa densidade
3-1 - Comp. B - 346 nm 10%
3-2 Exemplo 4a - - 354 nm 5%
3-3 Exemplo 4a Comp. B 10/90 | 346 nm 11%
3-4 Exemplo 4a Comp. B 20/80 347 nm 8%
3-5 Exemplo 4a Comp. B 30/70 347 nm 7%

Uma camada de filtro de UV compreendendo o composto da in-
vencao exibe estabilidade de luz excepcionalmente boa e & portanto ade-
quada para a protecao de luz a longo prazo de camadas fotograficas.
Exemplo 18: Um material fotografico é produzido com a seguinte construgao
de camada:

a mais alta camada

camada sensivel a vermelho

segunda intercamada de gelatina

camada sensivel a verde

primeira intercamada de gelatina
L
camada sensivel a azul

base polietileno

As camadas de gelatina compreendem os seguintes compo-
nentes (por m? de material de base):

Camada sensivel a azul

alfa-(3-Benzil-4-etoxihidantoin-1-il}-alfa-pivaloil-2-cloro-5-[alfa-
(2,4-di-t-amilfenéxi)butanamido]acetanilida (400 mg)

alfa-(1-Butil-fenilurazol-4-il)-alfa-pivaloil-5-(3-dodecanossulfonil-
2-metilpropanamido)-2-metoxiacetamida (400 mg)

ftalato de dibutila (130 mg)

ftalato de dinonila (1 30 mg)

Gelatina (1200 mg)

1,5-Dioxa-3-etil-3-[beta-(3,5-di-t-butil-4-hidroxifenil)-
propioniloximetil]-8,I10-

difenil-9-tia-[5,5]spiroundecano (150 mg)
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2,2-bis(3,5-di-t-butil-4-hidroxibenzil)malonato de Bis{1-acriloil-2,
2,6,6-tetrametil-4-piperidila) (1 50 mg)

3,5-Di-t-butil-4-hidrdxi(2,4-di-t-amilfenil)benzoato (150 mg)

Poli(N-t-butilacrilamida) (50 mg)

Emulséo de clorobrometo de prata sensivel a azul (240 mg)
Primeira intercamada de gelatina

Gelatina (1000 mg)

2,5-Di-t-octilidroquincna (100 mg)

5-[2,5-dihidréxi-4-(4-hexiloxicarbonil-1,1-dimetilbutil)fenil]-5-
metilexanoato de hexila (100 mg)

ftalato de dibutila (200 mg)

ftalato de diisodecila (200 mg}
Camada sensivel a verde

7-Cloro-2-{2-[2-(2,4-di-t-amilfenéxi)octanamido)-1-metiletil}-6-
metil-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol (100 mg)

6-t-Butil-7-cloro-3-(3-dodecanossulfonilpropil)-1H-pirazolo[5,1-
o][1,2,4)triazol (100 mg)

ftalato de dibutila (100 mq)

fosfato de dicresila (100 mg)

fosfato de trioctila (100 mg)

Gelatina (1400 mg}

3,3,3',3'-Tetrametil-5,5',6,6'-tetrapropdxi-1,1'-spirobiindano (100 mg)

1,1-diéxido de 4-(i-Trideciloxifeniljtiomorfolina (100 mg)

4,4'-Butilidenobis(3-metil-6-t-butilfenol) (50 mg)

2,2'-Isobutilidenobis(4,6-dimetilfenol) (10 mg)

3,5-Dicloro-4-(hexadeciloxicarboniléxi)etilbenzoato (20 mg)

benzenossulfonato de 3,5-Bis[3-(2,4-di-t-amilfendxi)propilcarba-
moil] sédio (20 mg)

Emulsao de clorobrometo de prata sensivel a verde (150 mg)
Segunda intercamada de gelatina

Gelatina (1000 mg)

5-Cloro-2-(3,5-di-t-butil-2-hidroxifenil)benzo-1,2,3-triazol (200 mg)



10

15

20

25

30

61

2-(3-Dodecil-2-hidréxi-5-metilfenit)benzo-1,2,3-triazol (200 mg)

fosfato de trinonila (300 mg)

2,5-Di~t-octilidroquinona (50 mg)

5-[2,5-dihidroxi-4-(4-hexiloxicarbonil-1,1  -dimetilbutil)fenil]-5-me-
tilexanoato de hexila (50 mg)

Camada sensivel a vermelho

2-[alfa-(2,4-Di-t-amilfendxi)butanamido]-4,6-dicloro-5-etilfenol
(150 mg)
2,4-Dicloro-3-etil-6-hexadecanamidofenol (150 mg)
4-Cloro-2-(1,2,3,4,5-pentafluorobenzamido)-5-[2-(2,4-di-t-
amilfendxi)-3-metilbutanamido]fenol (100 mg)
ftalato de dioctila (100 mg)
ftalato de dicicloexila (100 mg)
Gelatina (1200 mg)
5-Cloro-2-(3,5-di-t-butil-2-hidroxifenil)benzo-1,2,3-triazol (100 mg)
2-(3-Dodecil-2-hidroxi-5-metilfenil)benzo-1,2,3-triazol (100 mg)
3,5-Di-t-butil-4-hidréxi(2,4-di-t-amilfenil)benzoato (50 mg)
Poli(N-t-butilacrilamida) (300 mg)
N,N-Dietil-2,4-di-t-amilfenoxiacetamida (100 mg)
2,5-Di-t-octilidroquinona (50 mg)
Emulséo de clorobrometo de prata sensivel a vermelho (200 mg)
A mais alta camada é preparada com ou sem absorvedor de UV;
com absorvedor de UV:
2,5-Di-t-octilidroquinona (20 mg)
Hexil 5-[2,5-diidréxi-4-(4-hexiloxicarbonil-1,1-dimetilbutil)fenil]-5-
metilexanocato (20 mg)
Gelatina (400 mg)
fosfato de trinonila (120 mg)
Composto absorvedor de UV do exemplo 4a (200 mg)
Sem absorvedor de UV:

Gelatina (800 mg)

O agente de cura usado € solugao de sal de potassio de 2,4-
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dicloro-6-hidroxitriazina, o agente de umectacdo do sal de sédio de &acido
diisobutilnaftalencssulfénico.

Exposta sobre as amostras (com luz azul, verde ou vermelha,
respectivamente) sdo em cada caso cunhas de trés etapas com uma dife-
renca de densidade de 0,3 log E por estagio. Subseqiientemente, as amos-
tras sado processadas de acordo com o processo RA-4 (Kodak) para papéis
coloridos.

Apds a exposicdo e o processamento, as densidades de remis-
sdo sao medidas no vermelho para o estagio de ciano, no verde para o es-
tagio de magenta e no azul para o estagio amarelo, em uma densidade entre
0,9 e 1,1 das cunhas. As cunhas sao entao expostas com um total de 15

kJ/em® em um aparelho de exposicdo Atlas e as densidades de remiss&o

s8o medidas novamente.

Com a cunha de magenta, adicionalmente, a densidade de re-
missao é medida no azul antes e depois da exposi¢cao, para 0 amarelamen-
to.

A presenga do composto da invencgdo na mais alta camada re-
duz a perda de densidade de corante de imagem ciano, magenta, ¢ amarelo
e também o amarelamento da camada de magenta.

Exemglb 19: Estabilizacdo de luz de tintas de impresséo

Uma tinta de impressao de jato de tinta € preparada por mistura-
¢ao entre si dos seguintes componentes:

- 2 g de Acid Red 52

- 20 g de dietileno glicol

- 78 g de agua.

A tinta € agitada até que todos os componentes tenham dissolvi-
dos e a solugido seja entdo filirada através de filtro de Millipore com um ta-
manho de poro de 0,45 mm.

Uma porg¢éo da tinta é inserida em um cartucho esvaziado ou
limpo de uma impressora DeskJet 510 da HP. Uma amostra impressa é pro-
duzida sobre papel a partir da companhia sihi+eika (ref. 193.178) (amostra 1,

comparacao).



63

O composto da invengdo (mistura) do exemplo 9 & testado por
misturagdo de 0,30 g deste composto com 2,70 g da tinta descrita acima e
usando-se esta mistura para produzir uma amostra impressa como descrita
antes (amostra 2).

Depois da secagem, a densidade de cor das duas impressbées
de amostra é determinada com urn densitémetro (Macbeth TR924) usando-
se um filtro de status A. Subseqilientemente, as impressées de amostra séo
expostas em um alterimetro Atlas Ci 35 com uma lampada de xendnio 81
klux através de um filtro de vidro de janela de 6 mm de espessura (dose:
3660 klux h). Apds a exposicao, a densidade de cor é medida novamente a
fim de se determinar a perda de percentagem de densidade de cor. Os re-

sultados sdo mostrados na tabela abaixo:

amostra aditivo perda de densidade de cor depois
de 3660 klux h (%)
1 (Comparagéio) - 46
2 (Invencao) Ex. g 26

Como a tabela mostra, a mistura de compostos da invengéo si-

gnificativamente melhora a estabilidade de luz do corante.
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REIVINDICAGOES
1. Mistura de compostos, caracterizada pelo fato de que com-
preende um composto G, e pelo menos dois outros compostos do grupo G,
G4, cada em uma quantidade de 5 a 80 partes em peso por 100 partes em
peso do total de compostos Gg-Gg presente na mistura estabilizadora, em

que os compostos Go-Gg, cada um correspondendo a férmula |

O,Fn
Y
X
O.FM
R6.
0] ~N
Ll X oy (n
N
R3.
M MANT 0 o-R2
Rs <
na qual
X,YeZsaoH;

T1 e T2 sdo C4-Cygalquila;

e em que, no composto

Gy, os radicais R1, Rz, R3, R4, Rs € Rg sdo cada um hidrogénio;

G4, um radical do grupo R4, Rz, R3, R4, Rs € Rg € Q e os outros
séo cada um hidrogénio;

G, dois radicais do grupo R4, Rg, R3, R4, Rs € Rg sdo cada um Q
e os outros sdo cada um hidrogénio;

Gg, trés radicais do grupo R1, Rz, R3, R4, Rs e Rg séo cada um Q
e os outros sdo cada um hidrogénio;

G4, quatro radicais do grupo R1, Rz, R3, R4, Rs € R sdo cada um
Q e os outros sdo cada um hidrogénio;

Gs, cinco radicais do grupo R4, Rz, R3, R4, Rs € Rg sdo cada um
Q e 1 radical € hidrogénio;

Ge, Os radicais R1, Rz, R3, R4, Rs € Rg sdo cada um Q; e

Q é -T4, -COT4, -COH, -COOT4, -CONHT4, -CONH: ou -
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2. Mistura de compostos de acordo com a reivindicagao 1, carac-
terizada pelo fato de que, nos compostos G1-Gg da férmula |,

Qé-Ty; e

T1 é C1-Cqs alquila.

3. Composigao, caracterizada pelo fato de que compreende

(A) um material organico sensivel a dano por luz, oxigénio e/ou
calor, e

(B) como um estabilizador, uma mistura de compostos, como
definida na reivindicagéao 1 ou 2.

4. Composicao de acordo com a reivindicagéo 3, caracterizada
pelo fato de que compreende de 0,01 a 15 partes em peso do componente
(B) por 100 partes em peso do componente (A).

5. Composicdo de acordo com a reivindicagdo 3, caracterizada
pelo fato de que o componente (A) € um polimero termoplastico ou um aglu-
tinante para revestimentos ou um material reprografico ou madeira ou mate-
rial contendo madeira.

6. Composigcao de acordo com qualquer uma das reivindicacdes
3 a 5, caracterizada pelo fato de que compreende, como outro componente,
um aditivo da classe dos antioxidantes, absorvedores de UV e estabilizado-
res de luz, desativadores de metal, fosfitos e fosfonitos, hidroxilaminas, ni-
tronas, tiossinérgicos, compostos de destruicido de perdéxido, estabilizadores
de poliamida, co-estabilizadores basicos, agentes de nucleagdo, materiais
de enchimento e agentes de reforgo, plastificantes, lubrificantes, emulsifica-
dores, dispersantes, pigmentos, aditivos reoldgicos, catalisadores, auxiliares
de nivelamento, abrilhantadores 6pticos, retardantes de chama, agentes an-
ti-estaticos, agentes de expanséao, benzofuranonas e/ou indolinonas.

7. Composicao de acordo com qualquer uma das reivindicacdes
3 a 6, caracterizada pelo fato de que compreende como outro componente
um ou mais estabilizadores selecionados de antioxidantes e estabilizadores
de luz da amina estericamente impedidas, 2-(2-hidroxifenil)-1,3,5-triazina, 2-

hidroxifenil-2H-benzotriazol, 2-hidroxibenzofenona e/ou tipo oxalanilida.



8. Método para estabilizagdo de material organico com relagéao
ao dano de exposicao a luz, oxigénio e/ou calor, caracterizado pelo fato de
que compreende a misturagao e/ou aplicagao ao dito material como estabili-

zador um composto do tipo G,, Gs, Ga, Gs, Ge da férmula Il

O.R‘I
Y
X Z
.R4
O
RG\O N
Z - X v (1)
N
‘ z
R5
5 na qual
X,YeZsaoH;

T3 é C4-Cqg alquila substituida por -COOR ou —COOM,;
T4 é C4-Cq5 alquila substituida por —-COOM, ou é C3-C4g alquila
substituida por —-COOM e interrompida por E;

10 E é selecionado de -O- e -COO-;
R é H ou C4-Cyg alquila;
M é Na ou K;

T1 e T2 sdo C41-Csalquila;
e em que, no composto
15 G,, os radicais R e R, independentemente uns dos outros sao
cada um Q2 e R3, R4, Rs e Rg sdo cada um hidrogénio;
G3, os radicais R4, Rz, e R3 independentemente uns dos outros
séao cada um Q3 e R4, Rs e Rg séo cada um hidrogénio;
G4, o0s radicais R4, Rz, R3 e R4 independentemente uns dos ou-
20 tros sdo cada um Qs e Rs e Rg sédo cada um hidrogénio;
Gs, os radicais R4, Rz, R3, R4 € Rs independentemente uns dos
outros sdo cada um Q3 e Rg € hidrogénio;

Gg, os radicais Ry, Ry, Rs, R4, Rs e Rg independentemente uns
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dos outros sdo cada um Q3; e

Q2 é -T3, -COT4, -COH, -COOT4, ou -CONTT; e

Q3 é-Ts.

9. Método para estabilizagdo de material organico com relagao
ao dano de exposicao a luz, oxigénio e/ou calor, caracterizado pelo fato de
que compreende a misturaciao e/ou aplicagcao ao dito material como estabili-
zador de uma mistura de compostos, como definida na reivindicagéo 1 ou 2.

10. Uso de uma mistura de compostos, como definida na reivin-
dicacao 1, ou de um composto, como definido na reivindicagao 8, caracteri-
zado pelo fato de ser como um estabilizador para material organico com re-

lacao a seu dano por exposicao a luz, oxigénio e/ou calor.
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RESUMO
Patente de Invencido: "MISTURA DE COMPOSTOS ESTABILIZADORA,
SUA COMPOSIGAO E SEU USO, E METODOS DE ESTABILIZAGAO DE
MATERIAL ORGANICO COM RELAGAO AO DANO DE EXPOSICAO A
LUZ, OXIGENIO E/OU CALOR".

A invencgao se refere a mistura de compostos contendo um com-
posto G, e pelo menos dois outros compostos do grupo Gi, G4, cada em
uma quantidade de 5 a 80 partes em peso por 100 partes em peso do total
de compostos Go-Gg presentes na mistura estabilizadora, em que os com-

postos Go-Gg, cada um correspondendo a férmula |
-R1 ‘

0
v
X
o-P4
o NN
T f‘;‘f’
N
R3.
o . X (P O—H2
ps  Z

emque X, Y e Zsao H; T1 e T2 sdo C4-Cqg alquila ou C¢-C45 alquila substitui-
da por D; ou sdo C3-Csp alquila interrompida por E; ou sdo C,-Csp alquila
substituida por D e interrompida por E; D € —COOR ou -COOM; E é selecio-
nado de -O- e -COO-; R é H ou C4-Cqgalquila; e M é Na ou K; e em que, no
composto, Gp, 0s radicais R4, Rz, R3, R4, Rs € Rg sdo cada um H; G4, um ra-
dical do grupo R1, Rz, R3, R4, Rs € Rs € Q e 0s outros sdo cada um H; Gy,
dois radicais do grupo R1, Rz, R3, R4, Rs € Rs sdo cada um Q e os outros sao
cada um H; Gs, trés radicais do grupo R1, Ry, R3, R4, Rs € Rg sdo cada um Q
e os outros sdo cada um H; G4, quatro radicais do grupo R4, Rz, R3, R4, Rs e
Re s&o cada um Q e os outros sdo cada um H; Gs, cinco radicais do grupo
R1, R2, R3, R4, Rs € Rg séo cada um Q e 1 radical é H; Gg, os radicais R1, Ry,
Rs, R4, Rs € Rg sédo cadaum Q; e Q é -T4, -COT4, -COH, -COOT4, -CONHT}4,
-CONH:; ou -CONTT>, e se refere a composi¢cdo compreendendo a mistura,
aos métodos de estabilizacdo de material organico com relagéo ao dano de

exposicao a luz, oxigénio e/ou calor, e ao uso da mistura.
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